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(57) Resumo: METODO E MONTAGEM PARA TRATAR UM MATERIAL PLANO A SER TRATADO, E DISPOSITIVO PARA
REMOVER OU RETER LiQUIDO DE TRATAMENTO E METODO PARA PRODUZIR UMA PLACA DE CIRCUITO A fim de
remover um liquido de tratamento (21) a partir de um material plano a ser tratado (10), que é transportado em uma montagem
para tratamento quimico a Umido do material a ser tratado (10), uma superficie de retencéo (4, 14) é fornecida para reter o liquido
de tratamento (21). A superficie de retencéo (4, 14) é disposta em relacéo a um trajeto de transporte do material a ser tratado (10)
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periférica de um cilindro (2,3).
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METODO E MONTAGEM PARA TRATAR UM MATERIAL PLANO A SER
TRATADO, E DISPOSITIVO PARA REMOVER OU RETER LiQUIDO DE
TRATAMENTO E METODO PARA PRODUZIR UMA PLACA DE CIRCUITO

A invencdo se refere a um método e uma montagem para tratar
5 um material plano a ser tratado e um dispositivo para
remover ou reter liquido de tratamento de um material plano
a ser tratado. Em particular, a invencdo se refere a tais
métodos, montagens e dispositivos os gquais permitem um
tratamento de um material a ser tratado dgque tem uma
10 superficie sensivel ou uma pluralidade de superficies
sensiveis. A invencdo se refere também a tais métodos,
montagens e dispositivos nos dquais o contato entre uma
regido util do material a ser tratado e os elementos fixos
pode ser substancialmente evitado, gquando o ligquido &
15 removido do material a ser tratado.
Ao processar o material plano a ser tratado, por exemplo,
planos de circuito na industria de plano de circuito, o
material a ser tratado ¢é frequentemente tratado em uma
linha de processo quimico a uUmido. A fim de remover liquido
20 de tratamento, como uma quimica do processo ou &agua, OS
chamados c¢ilindros de compressdo podem ser usados. Tais
cilindros podem, por exemplo, ser usados para o propdsito
de acumular liquido de tratamento para tratamento de
imersdo em uma estacdo de tratamento, como é descrito no
25 Documento de Patente n°® DE 43 37 988 Al.
A Figura 9 é uma vista esquematica de uma estacdo de
tratamento 200 na qual o nivel de liguido do ligquido de
tratamento ¢é maior do gque um plano de transporte do

material a ser tratado 203, de forma gue o material a ser
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tratado 203 possa ser transportado imerso. O material a ser

tratado 203 é& transportado em uma diregdo de transporte
horizontal 204 através da estacdo de tratamento. Para
transportar o material a ser tratado, pares de cilindros
211 a 216 sdo fornecidos, os Quais‘ repousam sobre as
superficies do material ‘a ser tratado 203 com face
ascendente e ou descendente, a fim de transportar o dito
material a ser tratado. Com o propdsito de evitar o
egcapamento de liquido de tratamento, um recipiente interno
201 é fornecido no qual o liquido de tratamento & acumulado
até o nivel superior (ndo mostrado). O recipiente interno
201 é encerrado por um recipiente externo 202, de forma que
o reCipienté externo 202 colete o 1liquido de tratamento
transbordando do rééibiéhte interno 201. A partir' do
liquido de tratamento 208 coletado pelo recipiente externo
202, o qual tem um nivel 209 no recipiente externo, o
liquido de tratamento & bombeado por uma bomba 210 de volta
ao recipiente interno 201. O liquido de tratamento pode ser
descarregado através de bocais de fluxo 206, 207, ou
similar, de volta para dentro do recipiente interno 201.

Para acumular o liguido de tratamento no recipiente interno
201 pares dos chamados cilindrés de compressdo 213, 215 sdo
usados na regido de fluxo de entrada e regido de fluxo de
saida do recipiente interno 201. Os pares de cilindros de
compressdo 213, 215 podem, por exemplo, ter uma superficie
periférica cilindrica. Se os cilindros de compressdo 213a,
213b do par 213 e os cilindros de compressdo do par de
cilindros 215 repousam no material a ser tratado 203, a

secdo transversal 1livre através da qual o 1liquido de

S
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restringida. Pelo ajuste correspondente da taxa de entrega
da bomba 210, um nivel desejado de liquido de tratamento no
recipiente interno 201 pode ser ajustado. Pares de
cilindros adicionais, como os pares de cilindros 211, 212,
214 e 216 na regido de fluxo de entrada ou regido de fluxo
de saida da estacdo de tratamento pode também atuar como
cilindros de compressio.

Contudo, se o material a ser tratado 203 tem uma ou mais
superficies sensiveis, o contato direto entre os pares de
cilindros de compressdo 213, 215 e o material a ser tratado
203, o qual estd sobre toda sua largura sobre cilindros de
compressao convencionais, isto g, toda a largura
transversalmente & direcgdo de transpdrte 204} do material a
ser tratado 203, pode causar danos a supérficie do material
a ser tratado 203. Danos as superficies do material a ser
tratado 203 podem, por exemplo, ser causadas pela pressdo
da superficie ou particulas que aderem &s superficies dos
cilindros de compressdo 213, 215 e desnivelamento de
superficie.

O objetivo da invengdo é fornecer um método e uma montagem
para tratar um material plano a ser tratado e um
dispositivo para remover ou reter ligquido de tratamento
para uma montagem para tratar um material plano a ser
tratado, no qual o risco de danos as superficies sensiveis
do material a ser tratado pode ser reduzido. O objetivo da
invencdo & fornecer ainda um método para produzir planos de
circuito, nos quais o risco de danos as regides de

superficie sensivel do plano de circuito pode ser reduzido.
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De acordo com a invenc¢do, o objetivo é atingido por um

método e uma montagem para tratar um material plano a ser
tratado e um dispositivo para remover ou reter liguido de
tratamento, como estabelecido nas reivindicagdes
independentes. As reivindica¢des  dependentes definem
modalidades preferenciais e vantajosas da invencdo.

O método para tratar um material plano a ser tratado, o
qual é transportado em uma montagem para tratamento quimico
a Umido do material a ser tratado ao longo de um trajeto de
transporte, providencia uma superficie de retencgdo para
reter um ligquido de tratamento, ao qual o material a ser
tratado é& submetido na montagem. A superficie de retencdo é
posicionada'nb trajeto de transporte, de forma que um vo
permaneca entre a superficie de retengdo e uma superficie
do material a ser tratado, quando o materialva ser tratado
é movido pela superficie de retencgdo.

Uma superficie a qual, devido ao seu projeto e arranjo,
possa restringir um fluxo de liquido em, pelo menos, uma
diregdo, em particular, em uma direg¢do de transporte do
material a ser tratado & designada como uma superficie de
retenqéo:para reter o liqﬁido de tratamento. A superficie
de retengdo ndo precisa evitar completamente o fluxo de
liquido, mas pode permitir a passagem de liquido de
tratamento, em particular, através do vdo formado.

Ao posicionar a superficie de retengdo de forma que entre a
superficie de retencdo e uma superficie do material a ser
tratado permanegca um vdo quando o material a ser tratado
passa pela superficie de retencdo, a porcdo de material a

ser tratada na qual o vao é disposto ndo entra em contato




10

15

20

25

5/61

com a superficie de reten¢io. A superficie de retencdo
pode, em particular, ser projetada de forma que o vao se
estenda ao 1logo de uma regido Util do material a ser
tratado, de forma que a superficie de retengdo ndo entre em
contato com a regido Gtil do material a ser tratado.

A superficie de retengdo pode ser projetada e disposta de
forma que a superficie de reteng¢do ndo entre em contato com
uma regido Gtil do material a ser tratado a qual se estende
continuamente entre regides de bordas opostas do material a
ser tratado. A superficie de retengdo pode ser projetada e
disposta de forma dque a ‘superficie de retencdo seja
espacada de toda a regido Gtil do material a ser tratado. A
superficie de retencdo pode ser projetada e disposta de
forma que um vdo em uma direcdo se estenda transversalmente
a direcdo de transporte do material a ser tratado
continuamente sobre toda a regiéo'ﬁtil do material a ser
tratado quando o material a ser tkratado é movido pelas
superficies de retengdo.

O vdo pode ter uma altura minima do vdo. O espagamento
minimo entre a superficie de retencdo e o material a ser
tratado que ao passar pafa além da superficie de retén¢éo é
designado como a altura minima do vdo. Pelo menos em um
lado da superficie de retenc¢do o liquido de tratamento pode
ser acumulado até um nivel em que seja mais alto que a
altura minima do vao. O material a ser tratado pode, entdo,
ser transportado imerso no liquido de tratamento em, pelo
menos, um lado da superficie de retengdo. A superficie de
retencdo pode reduzir o nivel de liquido no material a ser

tratado e/ou remover o liquido de tratamento do material a
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ser tratado se, por exemplo, o material a ser tratado for

movido por uma regido de fluxo de saida da estagdo de
tratamento na superficie de retengdo.

A altura minima do vdo pode ser menos do que 1 mm, em
particular, menos do que 0,7 mm, em particular, menos do
que 0,5 mm. A altura minima do vdo pode ser, pelo menos
0,05 mm, em particular, pelo menos, 0,07 mm, em particular,
relo menos 0,09 mm.

Um liguido de tratamento que passa através do vao pode ser
removido do material a ser tratado por um fluxo de fluido,
por exemplo, soprado por um fluxo de gé&s. Pela combinagado
da superficie de retencdo formadora de vdo e o sopro para
longe do liquido de tratémento, uma remogdo do 1iqﬁidd de
tratamento pode ser realizada mesmo quando o ligquido de
tratamento passa através do v&o.

Uma segunda superficie de retengdo a qual é espacada em
relacdo a superficie de retencdo pode ser fornecida a fim
de remover o ligquido de tratamento que passa através do vao
do material a ser tratado. Entdo, em uma regido de fluxo de
entrada de uma estagdo de tratamento ou em uma regido de
fluxo de saida da estacdo de tratamento entre a superficie
de retengdo e a segunda superficie de retengdo, o liquido
de tratamento pode ser acumulado até um nivel o qual é mais
baixo do que o nivel do liquido de tratamento em uma regido
de operagdo da estacdo de tratamento. Dessa maneira, uma
série de niveis em forma de uma cascata podem ser
produzidas.

Para remover o liquido de tratamento por um fluxo de

fluido, o fluxo de fluido pode ser direcionado até o
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" material a ser tratado. O dito fluxo de fluido pode ser

orientadoc de forma que ndo passe através do vao.
Adicionalmente, um fluxo de volume ou um ou mais de um
fluxo de volume, uma velocidade de fluxo e uma diregdo de
fluxo do fluxo de fluido podem ser ajustados de forma que o
fluxo de fluido ndo passe através do vao, isto &, por
exemplo, ndo entre no liquido de tratamento acumulado.

O fluxo de fluido usado para remover liquido de tratamento
pode fluir para dentro do material a ser tratado em uma
direcdo a qual tem um componente orientado transversalmente
na direcdo de transporte ve em paralelo ao plano de
transporte do material a ser tratado. Portanto, o liquido
de tratamento pode ser removido do material a ser tratado
transversalmente a direg¢do de transporte.

A superficie de retengdo pode ser formada em um cilindro. O
cilindro pode se estender ao longo do material a ser
tratado na direcdo de largura, isto &, transversalmente a
direg¢do de tfansporte do material a ser tratado. O cilindro
pode ser disposto de forma que seu eixo geométrico se
estenda em péralelo ao plano de transporte. Se o material a
ser tratado & transportado em um plano de transporte
horiiontal[ o cilindro pode ser fornecido acima ou abaixo
do plano de transporte. O cilindro pode ser configurado de
forma‘que a superficie do cilindro seja espaqéda em relagdo
a toda a regido Gtil do material a ser tratado.

O cilindro pbdé ser ajustado em rotacdo de forma que uma
parte da superficie do cilindro, a qual define o vdo de um
lado, se mova em uma direc¢do dque opostav a diregdo de

transporte do material a ser tratado. Dessa maneira, por
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eXerﬁpIo, o escapamento de liquido de tratamento pode ser
adicionalmente reduzido em uma regido de fluxo de saida da
estagdo de tratamento. Além disso, a troca de material na
superficie do material a ser tratado pode ser aprimorada.
Por meio do cilindro, ndo somente o liquido de tratamento
pode ser retido ou acumulado, mas também o material a ser
tratado pode ser transportado na diregdo de transporte no
cilindro, pelo menos, uma porgdo de transporte pode ser
fornecida a qual é acoplada ao material a ser tratado, a
fim de transportar o material a ser tratado. A superficie
de retencdo pode ser fornecida com um deslocamento em
relacdo & porgdo de transporte a fim de formar o vio.

A porgdo de transporte pode ser girada para transportar‘o
material a ser tratado. Em uma modalidade, a porc¢do de
transporte pode ser girada em relagdo a superficie de
retengdo a fim de permitir uma rotagdo independente da
porcdo de transporte e superficie de retengdo.

Em lados opostos do Véo na direcdo de transporte do
material a ser tratado, uma diferen¢a nos niveis do liquido
de tratamento pode ser estabelecida. O tratamento do
ligquido pode estar pfesente no material a ser tratado em
ambos os lados do v3o. Por exemplo, em uma regifio de fluxo
de entrada ou em uma regifio de fluxo de saida de uma
estacdo de tratamento pafa. o material a ser tratado, o
nivel do liguido de tratamento na superficie de retencdo
pode ser alterado em etapas a fim de atingir um nivel
desejadb de 1iquidd na regido de tratamento.

A superficie de retengdo pode ser girada a fim de reduzir

ou impedir a passagem de liquido de tratamento através do
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" v3o. Para essa finalidade, a superficie de retengdo pode

ser projetada e a veloc¢idade rotacional da superficie de
retencdo pode ser selecionada de forma que o deslocamento
do liquido de tratamento através da superficie rotacional
de retencdo reduz ou impede o fluxo do 1liquido de
tratamento através do vao.

O liquido de tratamento pode ser acumulado pela superficie
de retencdo em uma estag¢do de tratamento de forma que o
material a ser tratado seja transportado na estacdo de
tratamento imerso no liquido de tratamento. O transporte
imerso do material a ser tratado pode ser usado, em
particular, para tratar material fino a ser tratado com
rigidez baixa inerente.

O material a ser tratado pode ser um material tipo filme,
em particular um plaho de circuito tipo filme ou folha
metdlica condutora. O material a ser tratado pode ser
também material continuo.

O dispositivo fornecido de acordo com um aspecto da
inven¢do para remover ou reterbliquido de tratamento de um
material plano a ser tratado por uma montagem para
tratamento quimico a Umido do material a ser tratado
compreende uma superficie de retencido para reter o liquido
de tratamento. O dispositivo é projetado para ser disposto
em relagdo a um trajeto de transporte do material a ser
tratado, de forma que o dispositivo forme um vio entre a
superficie de retengdo e uma superficie do material a ser
tratado transportado ao longo do trajeto de transporte.

Os termos “remog¢do de" ou "reter" liquido de tratamento sdo

usados, portanto, no sentido de gque o dispositivo &
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‘projetado para reter o liquido de tratamento, pelo menos,

parcialmente, sem que o liquido de tratamento tenha que ser
completamente removido ou retido.

Como o© dispositivo' & prdjetado para ser posicionado de
forma que um vdo permanega entre a superficie de retencgdo e
uma superficie do material a ser tratada, uma por¢do de
material a ser tratado na qual o vao é formado nio entra em
contato com a superficie de retengdo. O dispositivo pode,
em particular, ser projetado de forma que o vdo se estenda
ao longo de uma regido Gtil do material a ser tratado, de
forma que a superficie de retencdo ndo entre em contato com
a regido Util do material a ser tratado.

O vdo pode ter uma altura minima de véo; O espagamento
minimo entre a superficie de retengéo e o material a ser
tratado ao se mover para além da superficie de retencdo é
designado como a "altura minima de vdo". O dispositivo pode
ser designado de forma que em, pelo menos, um lado da
superficie de retengdo o liquido de tratamento possa ser
acumulado até um nivel em que seja maior do que a altura
minima de v3o do v3o. O material a ser tratado pode,
portanto, ser transportado pelé lado da superficie de
reten¢do imerso no liquido de tratamento.

A altura minima de vio pode ser menos do que 1 mm, em
particular, menos do que 0,7 mm, em particular, menos do
que 0,5 mm. A altura minima de vdo pode ser, pelo menos,
0,05 mm, em particular, pelo menos 0;07 mm, em particular
pelo menos 0,09 mm.

O dispositivo pode compreénder um dispositivo de fluxo

espacado em relagdo & superficie de retengdo a qual &
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projetada para possibilitar que um fluxo de fluido flua
pelo material a ser tratado com a finalidade de remover o
liquido de tratamento do material a ser tratado. Por meio
do dispositivo de fluxo, o liguido de tratamento que emerge
através do vao pode ser removido.

O dispositivo de fluxo pode ser projetado para produzir o
fluxo de £fluido com um componente de velocidade o qual &
orientado em paralelo ao plano de transporte e
transversalmente & direcdo de transporte do material a ser
tratado. Por meio de um dispositivo de fluxo projetado de
tal forma, o liquido de tratamento pode ser removido do
material a ser tratado transversalmente a direcdo de
transporte. |

O dispositivo de fluxo pode ser projetado e disposto de
forma que o fluxo de fluido ndo passe através do vdo. Para
essa finalidade, um fluxo de volume ou um ou mais de um
fluxo de volﬁme, uma velocidade de fluxo e uma direcdo de
fluxo do fluxo de fluido podem ser designados de maneira
apropriada de forma que o fluxo de fluido ndo passe através
do vao até o 1liquido de tratamento acumulado. Dessa
maneira, a formacdo de bolhas, por exemplo, no liquido de
tratamento acumulado, pode ser reduzida ou impedida pelo
fluxo de fluido.

O dispositivo pode compreender uma superficie de retencdo
adicional, o dispositivo sendo projetado para ser disposto
em relacdio ao trajeto de transporte do material a ser
tratado, de forma que o dispositivo forme um vio adicional
entre a superficie de retencdo adicional e uma superficie

do material adicional a ser transportada ao longo do
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~ trajeto de transporte. A superficie de retengdio e a

superficie de retencdo adicional podem, por exemplo, estar
voltadas para superficies opostas do material a ser tratado
com a finalidade de remover o liquido do mesmo. A
superficie de retengdo e a superficie de retencdo adicional
podem ser fornecidas nos cilindros de um par de cilindros,
entre os quais o material a ser tratado & transportado.

O dispositivo pode ser projetado de forma que o liquido de
tratamento possa passar através do vdo. Quando a passagem
de um fluxo pequeno de liquido de tratamento através do vio
€& tolerada, em particular,v medidas para o impedimento
completo da passagem de liquido de tratamento podem ser
dispensadas.

A superficie de retengdo pode ser formada em um cilindro
montado de modo rotatdrio do dispositivd.'o cilindro pode
ser configurado de forma que a superficie do cilindro seja
espagada em relagdo a toda a regido UGtil do material a ser
tratado. '

0 dispositivo pode compreender um dispositivo de
acionamento o qual é prdjetadd para ajustér o0 cilindro em
fota¢éo de forma que a parte da'superficie do cilindro, a
qual define o vdo em um lado;'sé mova em uma direcdo a qual
é oposta a direcéo'de transporte do material a ser tratado.
Deséa maneira, por exemplo, em uma regifo de fluxo de saida
de uma estagdo de tratamento, o escapamento de liquido de
tratamento'pode ser adicionalmente reduzido. Além disso, a
troca de material na superficie do material a ser tratado
pode ser aprimorada.

0 cilindrd‘pode ser projetado de forma que possa ser usado
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ndo somente para reter o liguido de tratamento, por meio da

superficie de retengdo, mas também para transportar o
material a sér tratado  Para essa'fiﬁalidade/ pelo menos,
uma porgdo de transporte pode ser fornecida no cilindro, os
guais sdo configurados para se acoplarem ao material a‘éer
tratado para transportar esse material a ser tratado. No
cilindro, duas porc¢des de fraﬁsporte podem ser fornecidas
para transportar o material a ser tratado e a superficie de
retengdo pode ser disposta entre as, pelo menos, duas
por¢des de transporte. Por exemplo, porgdes de transporte
podem ser fornecidas em porgdes de borda axial do cilindro
e a superficie de retengdo pode se estender entre as
porcdes de borda axial. A superficie de retencdo pode ser
configurada como uma superficie a qual é compensada em
relagcdo a, pelo menos, uma porgdo de transporte e/ou, as
pelo menos, duas por¢des de tréhsporte. |

O cilindro pode ser projetado para se estender ao longo do
material a ser tratado em na direcéo de largura, isto €,
transversalmente A& direcdo de transporte do matefial a ser
tratado. Se o material a ser tratado & transportado em um
plano de transpcrte horizontal, o cilindro pode ser
projetado para ser fornecido acima ou abaixo do plano de
transporte.

O dispositi&o pode ser‘configurado de forma que o cilindro
possas ser ajustado de modo perpendiéular a um plano de
trénSporte do material 'a ser tratado, por exemplo, ao
fornecer um rolamento ajustdvel verticalmente. Em um
dispositivo iconfigurado assim, a geometria do v3o, em

particular, a altura minima de v3o, pode ser ajustada.
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A, pelo menos, uma porgdo de, transporte e/ou as, pelo

menos, duas porgdes de transporte podem ser giradas em
relagdo a superficie de retengdo. O dispositivo pode ser
projetado para um acionamento rotatdério da porcdo de
transporte e/ou das porgdes de transporte e para um
acionamento rotatdrio da superficie de retengdo
independente do mesmo.

Em outra modalidade, o dispositivo pode compreender um
elemento cuboidal no qual a superficie de retencdo é
formada.

O dispositivo pode ser projetado para o uso no método para
tratar o material a ser tratado, de acordo com um atributo
ou modalidade. -

A montagem, fornecida de acordo com um aspecto da invencédo,
para tratar um material plano a ser tratado compreende um
dispositivo para remover ou reter liquido de tratamento do
material a ser tratado, a qual é projetado como um
dispositivo, de acordo com um atributo ou modalidade da
invencdo.

A mbntagem 'pode compreender uma pluralidade de tais
dispositivos. Por exémplo, pelo menos, dois dispositivos
podem ser fornecidos espagados em relacdo um com o outro em
uma direcéo de transporte do material a ser tratado, com a
finalidade de remover o liquido de tratamento do material a
ser tratado. Pelo uso de uma pluralidade desses
dispositivos para remover o liguido de tratamento, uma
remoqéo substancial de liquido de tratamento é possivel,
mesmo se o liquido passa através de vi3os formados pélos

dispositivos. Alternativamente ou adicionalmente, uma
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pluralidade de disﬁoéiﬁiﬁds Wespaéadbsrrddh réiéqébwrﬁm ao
outro em uma diregdo de transporte do méterial a ser
tratado podé‘taﬁbém ser fornecida eﬁ uma fegiéd de fluxo dé
entrada de uma estacdo de tratamento, com a finalidade de
acumular o liquido de tratamento na estacdo de tratamento,
e para reduzir o escépamehto de liquido de tratamento da
estacéo_de tratamento.

A montagém pode compreender uma estacdo de tfatamento na
qual o liquido de tratamento pode ser acumulado. Tanto em
uma regido de fluxo de entrada da estacdo de tratamento e
em uma regido de fluxo de saida da estac¢do de tratamento,
um dispositivo para remover ou reter liquido de tratamento
do material  a ser tratado pode ser fornecido
respectivaménte. Por meio de dispositivos, .o liquido de
tratamento pode ser acumulado na estacdo de tratamento. Na
regido de fluxo de entrada e/ou na regifio de fluxo de
saida, em cada caso, pelo menos, dois dispositivos para
remover ou reter liquido de tratamento podem ser também
fornecidos. Por meio dos, pelo menos, dois dispositivos, o
liguido de tratamento pode ser acumulado em uma pluralidade
de niveis. | |

A'monﬁagem pode ser configurada para girar a superficie de
retendéo de um dispositivo fornecido na regido de fluxo de
entrada da estagdio de tratamento acima do plano de
transporte e da superficie de retengdo de um dispositivo
fornecido na regido de fluxo de saida da estacdo de
tratamento acima do plano de transporte em ‘direcées
opostas. Adicionalmente ou alternativamente, a montagem

pode ser configurada para girar a superficie de retencdo de
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'dmﬂdiéﬁééfﬁiﬁérféfﬁébiéb'ﬁéWfééiéd'de fluxo de entrada da

estagdo de tratamento abaixo do plano de transporte e da
superficie de retencdo de um dispositivo fornecido em uma
regido de fluxo de saida da estagdo de tratamento abaixo do
plano de transporte em direcgdes opostas. Pela escolha
adequada de direc¢des rotacionais, a passagem de liquido de
tratamento através dos vdos dos dispositivos fornecidos na
regido de fluxo de entrada e na regido de fluxo de saida
pode ser reduzida ou impedida.

De acordo com um aspecto adicional, um método para produzir
um plano de circuito & fornecido. Portanto, é fornecida a
produgdo do plano de circuito a partir de um material a ser
tratado o qual foi tratado pelo método para tratar o
material a ser tratado, de acordo com um atributo ou
modalidade. Por exemplo, um plano de circuito impresso pode
ser produzido por meio do método.

As modalidades da inven¢do fazem possivel a remogdo ou
retengdo de um liquido de tratamento do material a ser
tratado em uma montagem para tratamento quimico‘a imido de
um material a ser tratado. Assim, uma superficie de
retencgdo pafa reter liquido de tratamento pode ser disposta
espacada em relacdo a umayregiéo Gtil do material a ser
tratado, de forma que um vdo seja formado com a finalidade
de reduzir ou impedir o contato direto da regifio Gtil com
um elemento fixo.

As modalidades da inveng¢do podem ser usadas, em partiéular,
em montagens nas quais um material plano com uma superficie
sensivel a ser tratado & transportado em um plano de

transporte horizontal ou, substancialmente, em um plano de
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transporte horizontal. Contudo, as modalidades ndo

restriﬁgem a esse campo de aplicacéo.

A 1invengdo & descrita em mals detalhes, doravante no
presente  documento, com  referéncia a modalidades
preferenciais e vantajosas e pela referéncia aos desenhos
anexos, nos quais:

A Figura 1 € uma vista frontal esquemdtica de um
dispositivo para remover ou reter liquido de tratamento, de
acordo com uma modalidade.

A Figura 2 € uma vista lateral esquemdtica parcialmente
seccional do dispositivo da Figura 1.

A Figura 3 € uma vista lateral esquemdtica parcialmente
seccional de um dispositivo para remover liquido de
tratamento, de acordo com uma'modalidade adicional.

A Figura 4 € uma vista lateral esquemdtica parcialmente
seccional de uma porcgdo de uma éstacéo de tratamento com
uma pluralidade de dispositivos para remover liquido de
tratamento, de acordo com uma modalidade.

A Figura 5 € uma vista lateral esquemdtica parcialmente
seccional de uma porgdo de uma estacdo de tratamento com
uma plufalidade de dispositivos para remover liquido de
tratamento, de acordo com uma modalidade adicional.

A Figura 6 € uma vista frontal esquemdtica de um
dispositivo para remover ou reter liquido de tratamento, de
acordo com uma modalidade adicional.

A Figura 7 é uma vista lateral esquemdtica parcialmente
seccional de um dispositivo para remover 1ligquido de
tratamento, de acordo com uma modalidade adicional.

A Figura 8 € uma vista lateral esquemidtica parcialmente
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'seccional de uma estagdo de tratamento com dispositivos

para remover ou reter liquido de tratamento, de acordo com
uma modalidade em uma regido de fluxo de entrada e fluxo de
saida.

Figura 9 €& wuma vista lateral esquemdtica parcialmente
seccional de uma estagdo de tratamento com pares de
cilindros de compressio.

A informag¢do direcional ou posicional a qual refere-se ao
material a ser tratado é fornecida em relagdo & direcdo de
transporte, de acordo com a convengdo. A direcdo a qual,
quando o transporte do material a ser tratado & paralelo
e/ou ndo paralelo a diregdo de transporte, é denotada como
a direciio longitudinal a qual na direcdio no plano de
transporte em 4angulos retos a diregdo de transporte &
denotada como a diregdo de largura do material a ser
tratado.

Modalidades de dispositivos e métodos s3o reveladas nas
quais o ligquido de tratamento & retido ou removido de um
material a ser tratado. Por "ligquido de tratamento"
entende-se qualquer 1liquido ao qual o material a ser
tratado pode ser submetido em uma montagem para tratamento
quimico a fUmido, em particular um produto quimico de
processo, um liquido de enxaguadura tal como &gua ou
similares.

As modalidades s8o reveladas no contexto de uma montagem
para o tratamento do material a ser tratado, no qual o
material a ser tratado & transportado em um plano de
transporte horizontal. Informagdes como "acima do plano de

transporte" ou "abaixo do plano de transporte", "superficie
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'VSuperior", "superficie inferior", assim como referéncias a

altura ou a um nivel do liquido de tratamento e similares,
consequentemente se_referemva diregdo vertical, enquanto a
mésma ndo é indicada de outra forma. Por "transporte em um
plano ‘de transporte horizontal", pode se entender, em
particﬁlaf, um transporte de material a ser tratado no
qual, peio ménos, trés cantos do material a ser tratado
estdo localizados em um plano horizontal. Isto nio exclui o
fato de que, pelo menos, uma porgdo individual ou regides
individuais do material a ser tratado durante o transporte
estdo localizadas no lado dé fora do plano de transporte,
por exemplo, em um material a ser tratado com rigidez
inerente baixa.

A Figura 1 é uma vista frontal esquemética de um
dispositivo 1 para remogdo do liquido de tratamento a
partir de um material a ser tratado 10. A Figura 2 & uma
vista lateral esquemdtica do dispositivo 1 ao longo da
diregdo denotada na Figura 1 por II-II. O plano de corte da
vista lateral parcialmente seccional & um plano vertical,'o
qual faz intersegdo com o plano de transporte ao longo de
uma linha sobre a qual uma regifo Gtil do material abser
tratado é transportada.

O dispositivo 1 compreende um cilindro 2 e cilindro
adicional 3, os quais s8o dispostos em lados opostos de um
planb de transporte para o material a ser tratado 10, de
tal forma que o material a ser tratado 10 é transportado
entre o cilindro e o cilindro adicional 3. O dispositivo 1
pode, por exemplo, ser utilizado como um par de cilindros

de compressdo 213 ou 215 na éstaqéo de trataménto 200 da
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Figura 9.

O c¢ilindro .2 tem uma superficie de retengdo 4 para o
liguido de tratamento, a qual é fornecida como uma porgéo
de compensagdo da superficie periférica do cilindro 2. O
cilindro 2 & posicionado em relacdo a um trajeto de
transporte do material a ser tratado 10, de forma que um
vdo 8 permanece entre a superficie de retencdo 4 e o
material a ser tratado 10, quando o material a ser tratado
10 & transportado para além do cilindro 2. A porgdo que
forma a superficie de reten¢do 4 da superficie periférica
do cilindro 2 pode ser configurada de forma
substancialmente cilindrica.

o) cilindro adicional 3 tem uma superficie de retencdc 14
adicional para o liquido de tratamento o qual & fornecido
como uma porgdo de compensagdo da superficie periférica do
cilindro 3. Orcilindro adicional 3 é posicionado em relacdo
ao trajeto de transporte do material a ser tratado 10, de
forma gque um vdo 18 permanece entre a superficie de
retencdo 14 adicional e o material a ser tratado 10, quando
o material a ser tratado 10 é transportado para além do
cilindro 3. A p6r¢éo da superficie periférica do cilindro 3
que forma a superficie de retenc3o 14 adicional pode ser
configurada de forma substancialmente cilindrica.

Devido aos vdos 8, 18 os quais s3o formados pela disposicédo
e prbjeto do cilindro 2 e do cilindro adicional 3, uma
regido Gtil 11 do material a ser ‘tratado 10 a qual se
estende sobre uma grande parte da; direcéo de 1arguré do
material a ser tratado 10, entra em contato com os

elementos fixos do dispositivo 1. O risco de dano as
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superficies do material a ser tratado 10 na regifio Gtil 11

pode ser reduzido desta maneira.

Devido ao formato cilindrico da superficie de retencao 4 e
& superficie de retencdo 14 adicional, os vios 8, 18 tém
uma altura’ de vdo e/ou altﬁra livre a qual pode ser
alterada na dire¢d3o de transporte 20 do material a ser
tratado 10. Uma altura minima de vd3o 9, 19 dos vdos 8, 18 é
determinada por aqueles pontos das superficies de retencédo
4, 14 as quais estdo na diregdo mais curta da superficie do
material a ser tratado 10 em oposicdo ao respectivo
cilindro 2 e/ou 3. |

Mesmo que os vdos 8, 18 permitam a passagem do liquido de
tratamento, o liquido de tratémento pode ser rémovido do
material a ser tratado 10 pelo dispositivo 1. Em
particular, pelo estreitamento dos vios 8, 18 até a altura
de vao minima 9, 19, o dispositivo 1 pode causar uma perda
de pressdo a qual pode levar a niveis de liguido varidvel
do liquidd de tratamento nos dois lados opostos'do.cilindro
2 na direg¢do de transporte 20. |

A Figura 2 mostra esquematicamente um liquido de tratamento
21 o qual é acumulado em um lado do cilindro 2 até um nivel
22, e uma camada do liquido de tratamento 23 que permanece
apdés o material a ser tratado 10 passar pelo dispositivo 1,
© qual tem um nivel inferior 24. O dispositivo 1 pode, em
particular, ser projetado de forma que o liquido de
tratamento 21 seja acumulado em um lado dos cilindros 2, 3
(na Figura 2 no lado esquerdo dos cilindros 2, 3) pela
superficie de retencdo 4 e pela superficie de retencdo 14

adicional até um nivel 22 o qual, diretamente sobre a
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superficie de retengdo 4, é mais alto do que a altura de

vdo minima 9 .do vd3o 8 e do que a altura de v3o minima 19 do
vao 18, em cada caso medido a partir da borda inferior do
vdo 8 correspondente, 18 na posicdo com a altura de vi&o
minima.

Como serd explicado com mais detalhe com referéncia as
Figuras 3 a 6, o liquido de tratamento 23 que ainda
permanece no material a ser tratado apés o material a ser
tratado 10 passar pelas superficies de retenc3o 4, 14 pode
ser removido de uma maneira adequada, por exemplo, fazendo
com que o fluido flua sobre o material a ser tratado.

Os cilindros 2, 3 do dispositivo 1 podem ndo apenas serem
projetados para remover o liquido a partir do material a
ser tratado 10, mas também para transportar o material a
ser tratado 10. Para este fim, em suas duas extremidades
axiais o cilindro 2 pode ter porcdes de borda elevadas 5,
6, as quais sdo trazidas repousar em uma regifo de borda 12
do material a ser tratado 10, gqguando o material a ser
tratado & movido para além dos cilindros 2, 3. As porgdes
de borda elevadas 5, 6 podem ser acionadas em rotacdo, a
fim de transportar o material a ser tratado 10. Para o
acionamento rotacional das por¢des de borda 5, 6 uma haste
7 & fornecida a qual, quando se utiliza o dispositivo 1 é
montada de modo rotatdrio em uma montagem de tratamento
para o material a ser tratado 10. Mediante a rotagdo das
por¢des de borda. 5, 6 em uma diregéo rotaciohal 25, o
material a ser tratado 10 pode ainda ser transportado.
Consequentemente, o cilindro 3 em suas duas extremidades

axiais pode ter porc¢des de borda elevadas 15, 16, as quais
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s8o trazidas para repousar em uma regifio de borda 12 do

material a sér tratado 10, quando o material a ser tratado
€ movido para além dos cilindros 2, 3. As porgdes de borda
elevadas 15, 16 podem ser acionadas em rotacdo a fim de
transportar o material a ser tratado 10. Para o acionamento

P

rotécionalbdas por¢des de borda 15, 16, uma haste 17 é
fornecida a qual, quando se utiliza o dispositive 1, é
montada de modo rotatdério em uma montagem de tratamento
para o material a ser tratado 10. Mediante a rotacdo das
porgdes de borda 15, 16 em uma direcdo rotacional 26, o
material a ser tratado 10 pode ainda ser transportado.

As porgdes de borda 5, 6 e/ou as porgdes de borda 15, 16
podem formar uma conexdo de atrito e/ou uma conexdo
positiva com o material a ser tratado 10 a fim de
transportar o dito material a ser tratado. Por exemplo,
sobre as porgdes de borda 5, 6 e/ou sobre as por¢des de
borda 15, 16, projegSes podem ser formadas, as quais
engatam em recessos correspondentes do material a ser
tratado 10 a fim de transportar o material a ser tratado
10.

No cilindrc‘z,'as por¢6es de borda elevadas 5,’6 atuam como
porgdes de transporte, as quais podem ser acopladas ao
material a ser tratado 10 para transportar o material a ser
tratado 10. A superficie de retencdo 4 & compensada em
relagdo as porgdes de borda 5, 6. O raio maior e/ou de
elevacdo das porgdes de borda 5, 6 em comparagao com o raio
da superficie de retencdo 4, detérmina. a altura de vi3o
minima 9. Consequentemente, no cilindro 3 as porg¢des de

borda elevadas 15, 16 atuam como por¢cdes de transporte, as
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‘quais podem ser acopladas ao material a ser tratado 10 para

transportar o material a ser tratado 10. A superficie de
reﬁencéo 14 & compensada em relacdo as porcdes de borda‘lS,
16. O raio maior e/ou de elevacdo das porcdes de borda 15,
16 em comparagdo com o raio da superficie de reﬁengéo 14
determina a altura de vd3o minima 19.

Os raios das porgdes de borda e a superficie de retengao
podem ser selecionados para serem adequados para o campo de
aplicagdo desejado. Por exemplo, o raio da por¢do do
cilindro 2, 3 que forma a superficie de retencdo pode ser
menor do que o raio das por¢6es de borda do cilindro 2, 3
as quais sdo utilizadas como porgdes de transporte por
menos do que 1 mm, em particular por menos do que 0,7 mm,
em particular por menos do que 0,5 mm. O raio da porcdo do
cilindro 2, 3 qué forma a‘superficie de rétencéo pode ser
menor do que o raio das por¢des de borda do cilindro 2, 3
és quais s3o utilizadas como porg¢des de transporte por,
pelo menos, 0,05 mm, em particular por, pelo menos, 0,07
mm, em particular por, pelo menos, 0,09 mm.

De modo adicional, a haste 7 do cilindro 2 e/ou a haste 17
do cilindro adiCional 3 pode ser montada com um rolamento
de altura ajustavel de tal forma que um espagaménto da
haste 7 a partir da superfidie superior do material a ser
tratado 10 e/ou um espacamento da haste 17 a partir da
superficie inferior do material a ser tratado 10 pode ser
ajustado.

O cilindro 2 e o cilindro adicional 3 podem ser projetados
de forma que quando girar as porgdes de borda 5, 6 e/ou 15,

16 servindo como por¢des de transporte, as superficies de
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‘retencdo 4 e/ou 14 dd'reépéétivo cilindro também gira na

mesma diregdo com as porgdes de transporte do respectivo
cilindro. Desta maneira, um movimento relativo entre as
superficies de retengdo 4 e 14 e a superficie do material a
ser tratado 10 pode ser reduzido. .

Para este fim, o cilindro é/ou o cilindro 3, por exemplo,
pode ser projetado de forma que ambas as .porgées de
transporte e a superficie de retencdo s3o configuradas
sobre a superficie disto fixamente em termos de rotagdo uma
em relagdo a outra. De modo alternativo, entretanto, as
porgdes de transporte podem ‘ser fornecidas para serem
rotatdérias em relagdo & superficie de retengdo como sera
explicado com mais detalhe com referéncia & Figura 8.

Em uma modalidade, as porcdes de transporte podem ser
forhecidas'para serem rotatdrias em relagfio & superficie de
retencdo. Uma velocidade angular da superficie de retencao
pode ser selecionada dependendo de uma velocidade angular
das porgdes de transporte, um raio das porgdes de
transporte e um raio'da'porcéo do cilindro que forma a
superficie de retencdo. A velocidade angular da superficie
de retengio pode ser selecionada de forma que a velocidade
circunferencial sobre a superficie de retencdo é a mesma da
velocidade de transporte do material a ser tratado.

Uma pluralidade de modificac¢des do diSpositiVo 1 pode ser
implantada em outras modalidades.

Enquanto éué, por exemplo, os cilindros 2, 3 do dispositivo
1 tém em suas extremidades axiais as porgdes elevadas 5, 6,
15, 16, mais do que duas porcdes elevadas podem também ser

fornecidas sobre o cilindro e/ou sobre o cilindro adicional
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3. BAs porgdes elevadas adicionais podem assim, em

particular, ser dispostas sobre o cilindro e/ou sobre o
cilindro adicional 3 de forma que as mesmas entrem em
contato com o material a ser tratado 10 sobre regides de
superficie onde tal contato mecldnico nfdo é. critico. Por
exemplo, as regides de superficie do material a ser tratado
que correm na diregdo longitudinal do material a ser
tratado 10 podem estar apoiadas por porcdes elevadas
adicionais do cilindro 2 e/ou do cilindro adicional 3. A
regido util 11 do material a ser tratado 10 pode ser
definida por aquelas regides de superficie do material a
serem tratadas, as quais n3o entram em contato com as
porgdes elevadas do cilindro 2 ou do cilindro adicional 3.
A agdo de apoio adicional a qual é efetuada pelas porgdes
elevadas adicionais pode reduzir o risco de contato
indesejado do material a ser tratado 10 em sua regido Gtil.
Enquanto que no dispositivo 1, as superficies de retencdo
4, 14, as quais formam um v30 com a superficié do material
a ser tratado, sdo fornecidas ambas acima e abaixo do plano
de transporte, em um dispositivo de acordo com outra
modalidade uma superficie de retencgdo podevser fornecida em
um lado apenas, e a qual forma um v3o com uma superficie do
material a ser tratado. Por exemplo, tal superficie de
rétengéo‘formadora de vao podé ser disposta apenas sobre o
lado superior ou apenas sobre o lado inferior do pléno de
transporte. No lado oposto, por eXemplo, um éilindro pode
ser fornecido o qual tem um difdmetro substancialmente
uniforme. O cilindro pode assim entrar em contato com uma

superficie do material a ser tratado na regifio Gtil do
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material a ser tratado. A superficie de retencido formadora

de vio forhécida sobre o outro lado pode: levar a uma
reducdo das’ forcas' exercidas sobre as superficies do
material a ser tratado, a fim de reduzir o risco de dano és
superficies. |

Em outfa modalidade, a superficie periférica de um cilindro
com um didmetro o qual é constante, ou seja, o qual nio
varia na direcdo axial do cilindro, pode também servir como
uma superficie de retengdo a qual define um v3o entre a
superficie de retengdo e a superficie do material a ser
tratado. O projeto do vdo, em particular a altura de vio
minima, pode ser feito de modo ajustavel, pelo fato de o
cilindro ser montado por um rolamento, o qualbé de altura
ajustavel em relagdo ao plano de transporte. Além disso, os
tais dois cilindros podem ser fornecidos a fim de remover o
liquido sobre o lado superior e sobre o lado inferior do
material a ser tratado, um v3o que permanece o qual é
formado entre o cilindro‘correspondente € o material a ser
tratado.

A Figura 3 é wuma vista lateral esquemdtica de um
dispositivo 31 para remogdo do liquido de tratamento de
acordo com outra modalidade. O dispositivo 31 pode ser
utilizado, por exemplo, na regido de fluxo de saida da
estacdo de tratamento 200 da Figura 9 no lugar do par de
cilindros de compressdo 214, 215,’216. Os elementos ou o
equipamento do dispositivo 31, o qual em fungdio e/ou
projeto corresponde aos elementos ou ao - equipamento do
dispositivo 1, s8o dotados dos mesmos numerais de

referéncia e ndo sdo explicados novamente em detalhe.
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O dispositivo 31 compreende uma superficie de retencdo 4

para reter o liquido. O dispositivo 31 é projetado de forma
que a superficie de retengdoc 4 forma um vdo 8 com a
superficie de um material a ser tratado 10 que se opde ao
mesmo (na Figura 3 com a superficie superior do material a
ser tratado 10). A superficie de retengdo 4 pode, por
exemplo, ser fornecida sobre um cilindro montado de modo
rotatdério 2. O cilindro 2 pode ser projetado como descrito
abaixo com referéncia &s Figuras 1 e 2. A superficie de
retengdo 4 remove o liquido de tratamento a partir do
material a ser tratado 10 transportado para além da
superficie de retengdo 4. Como o vdo 8 em uma modalidade
permite a passagem do liquido de tratamento, o liquido de
tratamento 34 pode ainda estar presente no material a ser
tratado 10 apdés o dito material a ser tratado ter passado
através do cilindro com a superficie de retencdo 4.

O dispositivo 31 ainda compreende um dispositivo de fluxo
32 com uma disposigdo de bocal. O dispositivo de fluxo 32
na diregdo de transporte é espacado a partir do cilindro e
da superficie de reteng¢do 4 fornecida sobre o cilindro. O
dispositivo de fluxo 32 é disposto & jusante na direg¢do de
transporte, ou seja, na direcdo de transporte apds o
cilindro com a superficie de retencdo 4. O dispositivo de
fluxo 32 é projetado para remover, a partir do material a
ser tratado 10, uma porgdo do liquido de tratamento 34 o
qual permanece no material a ser tratado 10 apds passar
através do vd3o 8. O dispositivo de fluxo 32 pode, em
particular, ser projetado para remover, a partir do

material a ser tratado 10, uma grande porcdo do liquido de
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 tratamento 34 o qual permanece no material a ser tratado 10

apds passar através do vdo 8.

O‘ dispositivo de fluxo 32 pode descarregar um fluxo de
fluido 33, em particular um fluxo de gads, por exemplo, um
fluxo de ar, a fim de soprar para longe o liquido de
tratamento 34 a partir do material a ser tratado 10, ou de
remover o liquido de tratamento de outra forma pelo fluxo
de fluido 33. O fluxo de fluido 33 pode ter, pelo menos, um
componente de fluxo na dire¢do da superficie de retencgédo
formadora de vdo 4 do dispositivo 31 (na Figura 3, um
componente orientado para a esquerda). Sobre a superficie
de retengdo 4, o liquido de tratamento pode fluir para o
lado do material a ser tratado.

O dispositivo de fluxo pode também ser projetado de forma
que o fluxo de fluido 33 tem um componente de fluxo o qual
é orientado paralelo ao plaho de transporte e de modo
transversal & direcdo de transporte 20, ou seja, paralelo a
diregdo axial do cilindro 2, no qual a superficie de
retengdo 4 €& formada. Desta maneira, o ligquido de
tratamento 34 pode ser removido a partir do material a ser
tratado 10 até o lado.

O dispositivo de fluxo 32 pode se estender sobre toda a
iargura do material a ser tratado 10,>ou seja, sobre a
extensdo do material a ser tratado 10 de modo transversal a
diregdo de transporte, sobfe 0 material a ser tratado 10.
Para a descarga do fluxo de fluido 33, o dispositivo de
fluxo 32 pode compreender uma ou mais aberturas de bocal.
As aberturas de bocal podem, por exemplo, ser formadas como

uma ranhura continua, uma pluralidade de ranhuras ou uma
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pluralidade de orificios, os quais sdo formados na direcio

de largura do material a ser tratado 10 sobre o dispositivo
de fluxo 32. O dispositivo de fluxo 32 pode ser projetado
de forma que o espagamento das aberturas de bocal relativo
a superficie do material a ser tratado io seja
substancialmente do mesmo tamanho sobre toda a largura do
material a ser tratado.

O dispositivo de fluxo 32 pode compreender um corpo de
canal reto, o qual & orientado paralelo ao plano de
transporte e de modo transversal & direg¢do de transporte
20. O corpo de canal pode ser orientado de modo alternativo
paralelo ao plano de transporte e obliquamente na direcdo
de transporte 20.

Em uma modalidade, o formato do dispositivo de fluxo 32
pode ser tal que uma porgdo central do dispositivo de £luxo
32 na 'direééo de largura do material a ser tratado &
disposta mais préxima & superficie de retengdo formadora de
vdo 4 do que uma porgdo de borda do dispositivo de fluxo
32. Por exemplo, o dispositivo de fluxo 32 pode ter um
formato o quai em uma vista plana de uma direcdo
perpendicular ao plano de transporte (ou seja, na Figura 3
quando visto perpendicular de cima sobre o pland de
transporte) tem um formato convexo'vem diregdo ao vdo 8
formado pela superficie de retengdo 4. Por exemplo, o
dispositivo de fluxo 32 em vista plana pode ter um formato
em V, os péntos disto que apontam em direécdo & superficie
de retengdo 4. Um dispositivo de fluxo assim configurado é
projetado para descarregar o fluxo de fluido com um

componente de velocidade na direcdo de uma borda do



10

15

20

25

31/61

material a ser tratado, a fim de carregar efetivamente o

liquido de tratamento em direg8o & borda do material a ser
tratado e assim remover o dito liquido de tratamento.

O dispositivo de fluxo 32 pode ser projetado para
descarregar_um fluxo de gas, em particularbum fluxo de ar,
0 qual assim flui sobre o material a ser tratado. O
dispositivo de fluxo 32 pode ser projetado de forma gue uma
velocidade de fluxo de saida do fluxo de gas 33 & igual a,
pelo menos, 2 m/segundo, em particular, pelo menos, 10
m/segundo, em particular, pelo menos, 30 m/segundo.

O dispositivo de fluxo 32 pode também ser projetado para
descarregar um fluxo de liquido e assim fluir sobre o
material a ser tratado. O dispositivo de fluxo 32 pode ser
projétado'de forma que'umaiveIOCidade de fluxo de saida do
fluxo de liquido 33 é igualka, pelo menos, 0,1 m/segundo,
em particular, pelo menos, lAm/segundo, em particular, pelo
menos, 3 m/segundo.

O dispositivo de fluxo 32 pode ser projetado de forma que
uma diregdo de fluxo de saida do fluxo de fluido 33 pode
ser paralela ou obliqua & superficie do material a ser
tratado. Em particular, o dispositivo de fluxo 32 pode ser
configurado de forma que o fluxo de fluido flui para fora a
partir das aberturas de bocal do dispositivo de fluxo 32 na
direcdo do vdo 8 e/ou de modo transversal i direcdo de
transpdrte, em diregdo a uma borda do material a ser
tratado 10. De modo alternativo, a direcdo de fluxo de
salda pode também ser direéionada perpendicular a
superficie do material a ser tratado 10.

O dispositivo de fluxo 32 pode ser configurado de forma que
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o fluxo de fluido 33 ndo passa através do vdo 8, ou seja,

ndo entra no liquido de tratamento acumulado sobre o lado
oposto da superficie de retengdo formadora de vdo 4. Desta
maneira, pode ser evitar ou prevenir que o fluxo de fluido
33 cause a formagdo de bolhas no liquido de tratamento 21.
A fim de evitar a passagem do fluxo de fluido 33 através do
vao 8, por exemplo, um fluxo de volume ou uma ou mais
dentre um fluxo de volume, a velocidade de fluxo de saida,
e/ou a direcdo de fluxo de saida do fluxo de fluido 33 a
partir do dispositivo de fluxo 32 pode ser consequentemente
ajustada.

O dispositivo 31 pode ser projetado de forma que um
espacamento ou os diferentes espacamentos entre o vi3oc 8 e a
abertura de bocal e/ou as aberturas de bocal do dispositivo
de fluxo 32 sdo de, no madximo, 100 mm e de, pelo menos, 10
mm.

Como mostrado na Figura 3, o dispositivo 31 pode também
compreender uma superficie de retencdo 14 adicional
disposta abaixo do plano de transporte, a qual pode ser
formada sobre um cilindro adicional 3.

Uma pluralidade de modificagdes do dispositivo 31 pode ser
implantada nas outras modalidades. Enquanto que, por
exemplo, com referéncia & Figura 3, um dispositivo 31 para
remogdo do liquido de tratamento foi descrito, no qual o
dispositivo de fluxo 32 & disbdsto a jusaﬁte do cilindro 2
com a superficie de retencdo formadora de v3o 4 na direcdo
de transporte do material a ser tratado 10, um dispositivo
para reter o 1liquido de tratamento pode também ser

projetado de forma que o dispositivo de fluxo na direcdo de
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transporte do material a ser tratado & disposto em frente a

e/ou a montante da superficie de retéhgéo formadora de vao.
Um dispositivo assim formado pode, em particular, ser
utilizado em uma regido de fluxo de entrada de uma estagdo
de tratamento.

Em um diépositivo de remog¢do ‘ou"retengéo do 1liquido de
tratamento de acordo com outra modalidade, o dispositivo de
fluxo 32 pode ser fornecido de modo alternativo ou
adicional abaixo do plano de transporte, a fim de soprar o
liquido para longe de um lado de baixo do material a ser
tratado 10 ou, de outra fofma; remover o liquido a partir
do material a ser tratado 10 por meio do fluxo de fluido 33
descarregado a partir do dispositivo de fluxo.

Se o dispositivo de fluxo & fornecido abaixo do plano de
transpOrte,vo mesmo pode ser projetado de forma que o fluxo
de fluido produzido pelo dispositivo de fluxo tem um
componente de velocidade paralelo & direcdo de transporte a
qual é direcionada para longe da superficie de retencio
formadora de vdo. Por exemplo, em um dispositivo de fluxo
fornecido em uma regido de fluxo de saida de uma estagéo de
tratamento, o fluxo de fluido produzido pelo dispositivo de
fluxo pode ter um componente de velocidade orientado na
diregdo de transporte.

Se um dispositivo de fluxo para remoc¢ido do liquido de
tratamento & fornecido acima do plano de transporte, um
elemento de transporte pode ser fornecido na posicédo
correspondente abaixo do plano de transporte. De uma
maneira semelhante, se um dispositivo de fluxo para remogdo

do liquido de tratamento é& fornecido abaixo do plano de
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transporte, um elemento de transporte pode ser fornecido na

posigdo correspondente acima do plano de transporte. O
elemento de transporte e o dispositivo de fluxo podem ser
dispostos na mesma posi¢do na diregdo de transporte sobre
os lados opostos do plano de transporte.

O elemento de transporte pode, por exemplo,_ser projetado
para apoiar e/ou transportar o material a ser tratado. O
elemento de transporte pode ser configurado como um
cilindro. O cilindro pode ter uma superficie de retengdo de
compensacgao, mas pode também ter um didmetro
substancialmente constante na direcdo axial. O elemento de
transporte pode também ser formado como um eixo de roda,
sobre o qual uma pluralidade de rodas & fornecida. As rodas
podem ser projetadas a fim de entrar em contato com o
material a ser tratado para transportar o material a ser
tratado.

A Figura 4 & uma vista lateral esquematica de uma regido de
fluxo de saida 41 de uma estacdo de tratamento. Tal regido
de fluxo de saida 41 pode ser fornecida na estag¢do de
tratamento 200 da Figura 9 em uma extremidade do recipiente
interno 201, no qual o Ihaterial a ser tratado deixa a
estagdo de tratamento. Na regido de fluxo de saida, um
material a ser tratado 10 & transportado mais além em uma
direcdo de transporte 20 a partir de uma regido de
tratamento 42 na qual um liquido de tratamento 21 é
acumulado de maneira suficientemente elevada para que o
material a ser tratado seja imersa.

A regido de fluxo de saida 41 compreende uma pluralidade de

dispositivos 43, 44 e 45 para remogdo de 1liquido de
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~tratamento do material a ser tratado 10. Os dispositivos

43, 44 e 45 para remogdo de liquido de tratamento sio
espacados entre si na direg¢do de transporte 20, dispostos
ao longo de uma trajetdria de transporte do material a ser
tratado 10. Cada um dos dispositivos 43, 44 e 45 pode
apresentar uma superficie de retengdo que esteja disposta
em relagdo ao plano de transporte de modo que um vio seja
formado entre a superficie de retengdo e a superficie do
material a ser tratado 10 oposta & mesma.

Os dispositivos 43, 44 e 45 podem ser formados como
dispositivos para remogdo de 1liquido de tratamento de
acordo com uma modalidade. Em uma modalidade, o dispositivo
43 pode compreender um par de cilindros 51, 52 que sédo
dispostos de modo que © material a ser tratado 10 possa
passar entre os mesmos. Em pelo menos um dos cilindros 51,
52 do dispositivo 43, uma superficie de retenc3o formadora
de vao pode ser formada para reter o liquido de tratamento
de modo que um vdo seja formado entre a superficie de
retengdo e a superficie do material a ser tratado 10 oposta
a dita superficie de retencdo, quando © material a ser
tratado & m0vido para além dos cilindros 51, 52. Em
particular, pelo menos um dos cilindros 51, 52 pode
apresentar regides de borda elevadas para tranSportar o
material a ser tratado 10 e uma supefficie de retencdo para
compensa¢do fornecida entre as mesmas. O dispositivo 43
pode, por exemplo, ser configurado & maneira do dispositivo
1 descrito em referéncia as Figuras 1 e 2.

O dispositivo 44 pode apresentar um cilindro 53 disposto

acima do plano de transporte e um dispositivo de fluxo 54 e
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“um cilindro 55 disposto abaixo do piéﬁd”déwﬁfénsporte e um

dispositivo de fluxo 56. Em pelo menbs um dos ciiindros 53,
55 do dispositivo 44, uma suﬁerficie de reteng¢do formadora
de vdo pode ser formada para reter o ligquido de tratamento
de modo que um vd3o seja formado entre a superficie de
reténgéo e a superficie do material a ser tratado 10 oposta
a dita superficie de retéhcéo, quando o© material a ser
tratado €& movido para além dos cilindros 53, 55. Em
particular, pelo menos um dos cilindros 53, 55 pode
apresentar regibfes de borda elevadas para transportar o
material a ser tratado 10 e uma superficie de retengdo para
compensagdo fornecida entre as mesmas, conforme explicado
em referéncia as Figuras 1 e 2. Os dispositivos de fluxo 54
e 56 fazem com que um fluxo de fluido 33 circule sobre o
material a ser tratado 10, por exemplo, um fluxo de ar, a
fim de remover o liquido de tratamento remaﬁescente‘sobre o
material a ser tratado. Para essa finalidade, os fluxos de
fluido 33 descarregados pelos dispbsitivos de‘fiuxo 54 e 56
podem ser direcionados de modo que se movam e, dessa
maneira, removam o liquido de tratamento na direcdo de uma
borda do material a ser tratado.

O dispositivo 45 pode apresentar um cilindrd 57 disposto
acima do plano de transporte e um dispositivo dé fluxo 58 e
um cilindro 59 disposto abaixo do plano de transporte‘e um
disbositivo de flﬁxo 60. Em peloimehos um dos cilindros 57,
59 do dispositivo 45, uma superficie de reteng¢do formadora
de vio jpara‘ retengdo do liquido de tratamento pode ser
formada de modo que um vio seja formado entre a superficie

de retengdo e a superficie do material a ser tratado 10
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oposta & dita superficie de retencdo, quando o material a
ser tratado €& movido para além dos cilindros 57, 59. Em
particular, pelo menos um dos cilindros 57, 59 pode
apresentar regides de borda elevadas para transportar o
material a ser tratado 10 e uma superficie de reteng¢do para
compensacao fornecida entre as mesmas, conforme explicado
em referéncia as Figuras 1 e 2. Os dispositivos de fluxo 58
e 60 fazem com que um fluxo de fluido 33 circule sobre o
material a ser tratado 10, por exemplo, um fluxo de ar, a
fim de remover o liquido de tratamento remanescente sobre o
material a ser tratado. Para essa finalidade, os fluxos de
fluido 33 descarregados pelos dispositivos de fluxo 58 e 60
podem ser direcionados dé modo que se movam e, dessa
maneira, removam o liquido de tratamento na direg¢do de uma
borda do material a ser tratado.

As superficies de retencdo formadoras de vi3os dos
dispositivos 43, 44 e 45 através das quais o material a ser
tratado 10 passa sucessivamente, podem apresentar
diferentes projetos. Por exemplo, os vios nos dispositivos
podem se tornar cada vez mais estreitos. Por exemplo, o
dispositivo 43 pode ser projétado de modo que um vd3o seja
formado com uma primeira altura de vio minima entre a
superficie de retengdo do dispositivo 43 e a superficie
oposta do material a ser tratado 10, embora o dispositivo
44 disposto &a jusante do dispositivo 43 na direg¢do de
transporte possa ser projetado de modo que um v&o seja
formado com uma segunda altura de v3o minima entre a
superficie de retencido do dispositivo 44 e a superficie

oposta do material a ser tratado 10. Dessa maneira, a
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segunda altura de V&0 minima no dispositivo 44 pode ser
menor que a primeira altura‘de vao minima no dispositivo
43, isto &, os vdos na regidio de fluxo de saida da estacao
de tratamento de um dispositivo até outro dispositivo para
remogdo de liquido de tratamento disposto a jusante na
diregéo de transporte podem apresentar uma altura inferior.
O dispositivo 43, que define a regidio de tratamento 42, é
projetada de modo que uma diferenca nos niveis 74 do
ligquido de tratamento seja definida entre os lados do
cilindro 51 que se opéenllna diregdo de transporte. Na
regido de tratamento 42, o liquido de tratamento 21 é&
acumulado até um nivel 71, embora na regio adjacente no
outro lado do cilindro 51, o liquido de tratamento seja
acumulado até um nivel 72.

O dispositivo 44, que €& disposto & jusante do diépositivo
43 na diregéokde transporte, & projetado de modo que o
liquido de tratamento seja removido ‘do material a ser
tratado 10, quando o material a ser tratado 10 passa
através dos cilindros 53, 55. O ligquido de tratamento 73,
que ainda estd presente sobre o material a ser tratado 10
depois que o material a ser tratado € movido para além dos
cilindros 53, 55, & pelo menos parcialmente rembvido pelos
dispositivos de fluxo 54, 56. Por meio do dispositivo 45
que é'disp6s£o a jusanté do dispositivo 44 na direcdo de
transporte, uma porcdo adicional do liquido de tratamento
pode ser removida do material a ser tratado, que apds
passar através do dispositivo 44 ainda pode estar presente
sobre o material a ser tratado 10. '

Com o uso de uma pluralidade de'dispositivos:para remogéo
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- de liquido de tratamento, o ligquido de tratamento pode ser

removido com seguranga do material a ser tratado 10, mesmo
quando o©os vaos permanecerem entre as superficies de
reten¢do e o material a ser tratado 10. |

Entre uma base 46 de um recipiente‘interno da estacdo de
tratamento e o cilindro 52 do dispositivo 43 disposto
abaixo do plano de transporte, uma barreira 47 é& fornécida.
Por meio da barreira 47, uma diferenca nos niveis 74 entre
os niveis liquidos 71, 72 pode ser definida em ambos os
lados do dispositivo 43. Para essa finalidade, aberturas
61, por exemplo, na forma de orificios, furos ou fendas
alongadas sdo formadas na barreira 47. As aberturas 61
podem ser fechadas., a fim de ajustar o fluxo de liquido
através da barreira 47, e, dessa maneira, 'ajustar a
diferenca nos niveis 74 entre os niveis liquidos 71 e 72.

O nivel 72 na regido adjacente & regido de tratamento 42 &
determinado por meio do equilibrio dos fluxos de liquido de
tratamento que circulam para dentro e para fora. Para poder
ajustar os ditos fluxos e, dessa maneira, © nivel 72, entre
as barreiras 47; 48, uma ou mais aberturas, por exemplo,
furos que podem ser fechados, podem ser fornecidos na base
46. Por meio de uma escolha adequada das aberturas que sdo
abertas na barreira 47, e das aberturas qué sdo abertas na
base 46, uma configuragéo basica para um nivel desejado 72
na regido adjacente 2a regido de tratamento 42 pode ser
selecionada. Além disso, barreiras de transbordamento podem
ser fornecidas em elementos que definem lateralmente a
estag¢do de tratamento, por exemplo, em receptores de mancal

que sdo fornecidos para suportar os cilindros 51, 52, 53 e
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SS.VQuéﬁtidadés déwiiquidéwqué'fluém'adicibhalﬁéhté”péfa
dentro podem ser descarregadas através das barreiras de
transbordamento. |

A fim de equilibrar o fluxo de liquido de tratamento gue
circula para fora da regi§o>de tratamento 42, o liquido de
tratamento pode ser transportado por uma bomba (nio
mostrada) pafa a regido de tratamento 42. |

Entre a base 46 do recipiente interno da estacdo de
tratamento e o cilindro 55 do dispositivo 44 disposto
abaixo do plano de transporte, uma barreira 48 & fornecida.
A barreira 48 ndo precisa apresentar quaisquer aberturas
que possam ser fechadas para ajustar o nivel de liquido. A
barreira 48 auxilia na redugdo do fluxo de liquido de
tratamento fora da regido de tratamento.

Em modalidades adicionais, modificacdes a regido de fluxo
de saida 41 podem ser implantadas. Em uma modalidade, por
exemplo, o dispositivo 45 pode  ser omitido.
Consequentemente, dois dispositivos para redeéo de liquido
de tratamento podem ser fornecidos na regido de fluxo de
saida. Ao menos o Gltimo dessesrdispritivos na diregéo de
transporte pode apresentar um dispbsitivo de fluxo. O
dispositivo de fluxo pode ser fornecido ao menos acima do
plano de transporte.

Em uma modalidade adicional, uma  pluralidade de
dispositivos para remégéd de liquido pode ser fornecidé,
que apresentam uma barreira com uma abertura ou uma
pluralidade de aberturas para definir uma diferenca nos
niveis. A barreira podé, em cada caso, apresentar um

projeto conforme explicado em referé@ncia & barreira 47. Em
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ﬁma'modaiidédé, pd} exemplo, na regifio de fluxo de entrada
ou de fluxo de saida, dqis dispositivos podem ser dotados,
em cada caso, de pelo menos um cilindro que apresenta uma
superficie de retengdo para retencdo de ligquido de recuo,
Que forma um vd3o com o material a ser tratado orientado
para além do dito superficie de retengdo, sendo que em cada
um dos dispositivos abaixo do plano de transporte, a
barreira & dotada de uma abertura ou uma pluralidade de
aberturas, conforme descrito para a barreira 47. Na diregdo
de transporte espag¢ada em relacgdo a ambos esses
dispositivos, um dispositivo adicional pode ser fornecido
com um projeto correspondente ao dispositivo 44. Dessa
maheira, por éxemplo, em uma regiéé de fluxo de entrada e
de fluxo de saida, ao menos duas regides podem ser formadas
com um nivel de liquido de tratamento que & mais baixo em
relac3o & regido de tratamento.

Embora nos dispositivos 43 a 45 para remocdo de liquido em
cada caso um cilindro seja fornecido tanto acima como
abaixo do plano de transporte, que forma um vio com o
material a ser tratado orientado para além do dito
cilindro, em uma modalidade adicional, cada um dos
dispositivos para remogdo de ligquido pode ser configurado
de modo que uma superficie de retengcdo seja fornecida
apenas sobre o cilindro fornecido acima do plano de
transporté, que deixa um vdo entre a superficie de retencdo
e o material a ser tratado orientado para além do dito
cilindro. Os cilindros fornecidos abaixo do plano de
transporte podem apresentar um didmetro uniforme na direcdo

axial dos cilindros.
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Em uma modalidade, um dos dispositivos de fluxo 54, 56 pode

ser substituido por um elemento de transporte. O elemento
de transporte pode ser projetado para suportar e/ou
transportar o material a ser tratado. O elemento de
transporte pode, por exemplo, ser configurado como um
cilindro ou eixo de roda. Alternativa ou adicionalmente, um
dos dispositivos de fluxo 58, 60 pode ser substituido por
um elemento de transporte. O elemento de transporte pode
ser projetado para suportar e/ou transportar o material a
ser tratado. O elemento de transporte pode, por exemplo,
ser configurado com um cilindro ou um eixo de roda.

Em uma modalidade, um dos dispositivos de fluxo 56, 60
fornecidos abaixo do plano de transporte pode ser
configurado de modo que o fluxo de fluido 33 produzido pelo
dispositivo de fluxo 56, 60 apresente um componente de
velocidade que esteja voltada para o interior da regido de
fluxo de saida 41 na diregdo de transporte.

A Figura 5 & uma vista lateral esquemdtica de uma regido de
fluxo de saida 81 de uma estacdo de tratamento. Tal regido
de fluxo de saida 81 pode ser fornecida na estagdo de
tratamento 200 da Figura 9 em uma extremidade do recipiente
interno 201, na qual o material a ser 'tratado deixa o
recipiente interno 201. Na regido de fluxo de saida, um
material a ser tratado 10 é transportado mais além em uma
diregdo de transporte 20 a partir de uma regido de
tratamento 82, na qual um 1liquido de tratamento 21 &
acumulado em um nivel tdo elevado que o material a ser
tratado é imerso. Os elementos ou dispositivos da regido de

fluxo de saida 81, que em sua fun¢§o e/ou projeto
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correspondem a elementos ou dispositivos da regiZio de fluxo
de saida 41, sio dotados dos mesmos nﬁméros de referéncia e
ndo sdo novamente explicados ém detalhes.

Em estagdes de tratamento especificas pode‘ser desejavel
ajustér um nivel de liquido 91 relativamente alto na regido
de tratamenﬁo 82. O nivel de liquido 91 na regiéb de
tratamento 82 pode, por exemplo, sér disposta, pelo menos,
15 mm acima do plano de transporte.

A regido de fluxo de saida 81 & dotada de uma pluralidade
de dispositivos 83, 44 e 45 para remogdo ou retencdo do
liquido de tratamento. O dispositivo 83 compreende os
cilindros 84, 85 os quais s3o dispostos de forma que o
material a ser tratado 10 pode ser passado entre os mesmos.
Em, pelo menos, um dentre os cilindros 84, 85 do
dispositivo 83, uma superficie de retencdo formadora de vio
pode ser formada 'para reter o liquido de tratamento de
forma que um v8o é formado entre a superficie de rétengéo e
a superficie do material a ser tratado 10 em oposigdo a
dita superficie de reteng3io, quando o material a ser
tratado & movido para além dos cilindros 84, 85. Em
particular, pelo menos, um dentre os cilindros 84, 85 pode
ter regides de borda elevadas para transportar o material a
ser tratado 10 e uma superficie de retencdo de compensacio
fornecida entre os mesmos. O par de cilindros 84, 85 pode,
por exemplo, ser configurado como o dispositivo 1 explicado
com referéncia as Figuras 1 e 2.

A fim de permitir uma acumulacdo do liguido de tratamento
até um nivel alto 91, o dispositivo 83 tem um elemento de

retengdo adicional 86 acima do cilindro 84. O elemento de
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- retengdo adicional 86 & projetado para contribuir, com um

nivel de liquido alto na regido de tratamehto 82, para a
acumulacdo do liquido de tratamento, mediante a atuacdo
disso como uma parede para o liquido acumulado. O elemento
de retencdo adicional 86 pode, por exemplo, ser configurado
como um .cilindro o qual ,é configurado de wuma maneira
complementar ao cilindro 84, de forma que os cilindros 84,
86 sdo fechados firmemente e apenas permitem uma pedquena
passagem de liquido ou n8o permitem nenhuma passagem de
liquido entre os cilindros 84, 86. Outras modalidades do
elemento adicional 86 sd3o poséiveis, por exemplo, na forma
de um suporte.

0 dispositivo 83 & projetado de forma que uma diferenca nos
niveis 97 do liquido de tratamento entre o nivel 91 na
regido de tratamento 82 e um nivel 92 na regido adjacente a
isto no outro lado do dispositivo 83 & ajustado e mantido
via o dispositivo 83. O dispositivo 44 disposto a jusante
do dispositivo 83 na direcdo de transporte, remove ainda o
liquido de tratamento do material a ser tratado 10 quando
este material a ser tratado passa através do dispositivo
44. No lugar do nivel 92, apenas umatquantidade’menor do
liquido de tratamento 93 é encontrada sobre o material a
ser tratado 10, quandovo material a ser trétado 10 passou
através do par de cilindros do dispositivo 44. O
dispositivo 45 disposto a jusante do dispositivo 44 na
diregéo'de'trahéporté pode remover ainda mais liquido de
tfatamehto do material a ser tratado 10 fornecido, isto &
ainda exigido apbs a passagem através do dispositivo 44.

A fim de ajustar a diferenca nos niveis 97, as aberturas
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‘que podem ser fechadas 61 sdo fornecidas na barreira 47. O

-

nivel 92 na regido adjacente a regido de tratamento 82 &
determinado mediante a equilibragdo dos fluxos do liquido
de tratamento que fluem para dentro e para fora. A fim de
ser capaz de ajustar estes fluxos e assim o nivel 92, uma
ou mais aberturas 96, por exemplo, orificios que podem ser
fechados, podem ser fornecidas na base 46 entre as
barreiras 47, 48. Mediante uma escolha adequada das
aberturas 61 as quais s8o abertas na barreira 47, e das
aberturas 96 as quais s8o abertas na base 46, um ajuste
bésico para um nivel desejado 92 na regido adjacente a
regido de tratamento 82 pode ser selecionado. De modo
adicional, as barreiras de fluxo de saida podem ser
fornecidas sobre elementos os quais definem lateralmente a
estagdo de tratamento, por ekemplo, sobre receptores de
apoio, os quais séo>fornecidos'para apoiar os cilindros dos
dispositivos 83 e 44. As quantidades de liquido que flui de
modo adicional para dentro podem ser descarregadas via as
barreiras de fluxo de saida.

A fim de equilibrar o fluxo do liquido de tratamento que
flui para fora da regido de tratamento 82, um fluxo 95 do
liquido de tratamento é carregado por uma bomba 94 para
dentro da regido de tratamento 82.

Enquanto gque, com referéncia as Figuras 4 e 5, és
modalidades de regides de fluxo de saida de uma estagdo de
tratamento foram descritas, os dispositivos para remog¢do ou
retengdo do liquido de tratamento podem consequentemente
também serem fornecidos em uma regido de fluxo de entrada

de uma estagdo de tratamento. Em particular, na regifio de
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fluxo de entrada, uma pluralidade de dispositivos pode
também ser fornecida, espacados um em relacdo ao outro, na
diregéo de transporte para remogdo ou retengdo do liquido
de tratamento, a fim de impedir que o liquiao de tratamento
flua sobre o material a ser tratado, antes que o dito
material a ser tratado abaste¢a a regifio de fluxo de
entrada‘na éstagéo de tratamenﬁo.

0 projeﬁo‘da superficie de retencdo formadora de vdo pode
ser selecionado de uma maneira apropriada dependendo dos
campos de aplicacdo especificos.

A Figura 6 €& uma vista frontal esquemdtica de um
dispositivo 101 para remogdo ou retengdo do liquido de
tratamento de acordo com uma modalidade adicional.

O dispositivo 101 compreende um cilindro 102 e um cilindro
adicional 103. O cilindro 102 e o cilindro adicional 103
sdo dispostos de forma que um material a ser tratado 10
pode ser transportado entre os cilindros 102 e 103. Uma
superficie periférica do cilindro 102 tem uma supefficie de
retengao 104 a qual & configurada para reter o liquido de
tratamento. O cilindro 102 com a superficie de retencdo 104
é configufadb de forma gque um vio 8 permaneéé' entre a
superficie de‘retengéo 104 do cilindro 102 e uma superficie
do material 'a ser tratado 10 em oposicdo a dita superficie
de reteng¢do, quando o material a ser tratado 10 é movidb
para além do cilindro 102. As porcdes de extremidade axial
105 do cilindro 102 s3o cdnfiguradas com um didmetro menor
do que a porgdo central do cilindro 102 que define a
superficie de retengdo 104, a fim de atuar como por¢des de

transporte para transportar o material a ser tratado 10 se
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P

o dito material a ser tratado & mantido em suas bordas

longitudinais por trilhos de retencdo.

Uma superficie periférica do cilindro adicional 103 tem uma
superficie de retengdo adicional 106 a qual é configurada
para reter o liquido de tratamento. O cilindro adicional
103 com a superficie de retengdo adicional 106 & projetado
de forma que um vdo 18 permanece entre a superficie de
retengdo adicional 106 do cilindro adicional 103, e uma
superficie do material a ser tratado 10 em oposicdo a este
cilindro, quando o material a ser tratado 10 é movido para
além do cilindro adicional 103. As por¢des de extremidade
axial 107 do cilindro adicional 103 s3o configuradas com um
didmetro menor do que a porcdo central do cilindro
adicional 103 que define a superficie de retencdo adicional
106, a fim de atuar como porgdes de transporte para
transportar o material a ser tratado 10, se o dito material
a ser tratado & mantido em suas bordas longitudinais por
trilhos de retencéo.

Sobre as bordas longitudinais do material a ser tratado 10,
os trilhos de retengdo 108, 109 sdo fornecidos, os quais
retém o material a ser tratado para transportar o material
a ser tratado 10. Tais trilhos de retengdo 108, 109 podem,
em particular, ser utilizados para transportar o material a
ser tratado com rigidez inerente baixa, a fim de conceder
estabilidade adicional ao material a ser tratado. o)
cilindro 162 e o cilindro adicional 103 do dispositivo 101
sdo projetados de forma que suas porcdes de extremidade
axial 105, 107 com um didmetro menor apdiam contra os

trilhos de 'retencéo 108, 109. Mediante a rotacdo do
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‘cilindro 102 e do cilindro adicional 103, o material a ser

tratado 10 pode ser transpbrtado ainda via os trilhos de
retengdo 108, 109.

No dispositivo 101, as superficies de retengéo 104, 106 dos
cilindros 102, 103 estdo em compensacdo relativa a porgdo
de transporte fornecida sobre a extremidade axial dos
cilindros 102, 103, de forma que os vios 8, 18 s3o formados
com a altura de vdo minima desejada entre as superficies de
retengdo 104, 106 e as superficies do material a ser
tratado 10 em oposigdo as ditas superficies de retencdo,
quando o material a ser tratado 10 & movido para além das
superficies de reten¢do 104, 106.

No dispositivo 101, os c¢ilindros 102, 103 ndo entram
diretamente 'em contato com o material a ser tratado 10. O
transporte do material a ser tratado 10 acontece via um
acoplamento das porgdes de transporte 105; 107 com os
trilhos de retencdo 108, 109 sobre os quais o material a
ser tratado 10 é retido.

Em uma modificacdo do dispositivd 101, os cilindros 102,
103 podem ser configurados de forﬁa gue os mesmos entrem em
contato com o material a ser tratado 10 em uma regido de
borda adjacente aos tfilhos de retencdo 108, 109, a fim de
transportar o dito materiél"a ser tratado. Para esta
finalidade, sobre os ciiindros 102, 103, as porgdes de
transporte elevadas podem sef fornecidas, as quais entram
em contato com o material a ser tratado adjacente aos
trilhos de retencdo 108, 109. Os éilindros 102, 103 podem
ainda ser projetados de forma que entre os cilindros 102,

103 e os trilhos de retengdo 108, 109, um vio para deslocar
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- o0 liguido também é& formado. Para esta finalidade, sulcos ou

recessos recuados de modo correspondente relativos as
porgdes de transporte dos gilindros para comprimir o
liquido dos trilhos de retenc¢do podem ser fornecidos sobre
os cilindros 102, 103. O vdo formado entre os cilindros e
os trilhos de retengdo pode ter uma altura de vdo minima a
qual pode ser menor do que 1 mm, em partidular menor do que
0,7 mm, em particular menor do que 0,5 mm. O v3o formado
entre os cilindros e os trilhos de retencdo podem ter uma
altura de vdo minima a qual pocde ser de, pelo menos, 0,05
mm, em particular, pelo menos, 0,07 mm, em particular, pelo
menos, 0,09 mm.

0 diépositivo 101 para compressdao de liquido do materiai a
ser tratado retido pode também compreender um dispositivo
de fluxo. O dispositivo de fluxo pode ser configurado como
explicado com referéncia & Figura 3. O dispositivo de fluxo
pode ser projetado, em particular,.de forma que o fluxo de
fluido descarregado a partir do dispositivo de fluxo também
remove o liquido de tratamento a partir ‘dos trilhos de
retengdo. ‘

Nos trilhdsjde retencdo 108, 109, furos atravessantes'podem
ser fornecidos, os quais permitem a passagenl de 1liquido
através dos trilhos de retengdo transversalmente & direcdo
de transporte.

Os cilindros 102, 103 podem ser projetados a fim de exercer
uma forca sobre os trilhos de retengdo 108, 109 fornecida
sobre, pelo menos, uma dentre as bordas longitudinais, com
um componente de forga o qual estd no plano de transporte e

€ orientado transversalmente para a direcdo de transporte.
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A forga pode ser orientada de forma que os trilhos de

retengdo 108, 109 fornecidos sobre as bordas longitudinais
opostas pode ser forgadas-para separac¢do a fim de prender o
material a ser tratado 10 transversalmente para a direcédo
de transporte. Para esta finalidade, por exemplo, of(s)
trilho(s) de retencd3o 108 e/ou 109 sobre, pelo menos, uma
borda longitudinal do material a ser tratado pode ter um ou
mais imds, em particular imds permanentes. O cilindro 102
fornecido acima do plano de transporte e/ou o cilindro 103
fornecido abaixo do plano de transporte pode ter um imd ou
uma pluralidade de iméé, a fim de exercer forca
eletromagnética sobre o trilho de retencdo. A forca pode
ser orientada de forma que os trilhos de retencdo sio
forcados para separacéo'de uma maneira eléstica sobre as
bordas longitudinais opostas do material a ser tratado 10.
A iFigura 7 €& uma vista lateral esquemdtica de um
dispositivo 111 para remocdo ou retengdo do liquido de
tratamento de acordo com uma modalidade adicional. No
dispositivo 111  as superficies de retencio ‘nio sdo
fornecidas sobre um cilindro montado de modo rotatdédrio.

0 dispositivo 111 compreendek . dois elementos
substancialmente cuboidais 112, 113 os Quais podemv ser
utilizados comd'insergéo'em uma montagem para tratamento de
um material a ser tratado 10. A insergéolllz é disposta
acima do plano de transporte, e a insercdo 113 & disposta
abaixo doxplano de transporte. Uma supérficie das inserc¢des
112, 113 serve como uma superficie de retencdo a qual retém
liguido de tratamento.

As insergdes 112, 113 do dispositivo 111 sdo dispbstés
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relativas a um trajeto de transporte do material a ser

tratado 10, de forma que entre uma superficie superior do
material a ser tratado 10 e uma superfiéie lateral ilé da
insergcdo 112 que estd voltada para a dita superficie
superiér,_um véoyllS permanece se o material a ser tratado
10 é guiado para além do dispositivo 111, e naquele um vao
118 permanece entre a superficie inferior do material a sger
tratado 10 e uma superficie lateral 117 da inser¢do 113 que
esta voltada para a superficie inferior, quando o material
a ser tratado 10 €& guiado para além do dispositivo 111. A
superficie lateral 114 da insergdo 112 e a superficie
lateral 117 da insergd@o 117 podem ter um projeto plano, de
forma que os vdos 115 e 118 se estendem na direcdo de
transporte com uma altura de vdo uniforme.

Os elementos de insercgdo 112, 113 do dispositivo 111 tem um
balcdo de abertura da regifdo do fluxo de entrada na direc3o
de transporte 20, que é formada por chanfraduras 116, 119
nos elementos de insergdo 112, 113. Tal regiéo de fluxo de
entrada pode, por exemplo, ser usada para material guia a
ser tratado com baixa rigidez inerente, por exemplo,
filmes.

o) dispositivo 111 gue compreende os elementos de.insercéo
112, 113 pode ser usado para écumular o liquido de
tratamento 21 em uma montagem para tratamento quimico a
Gmido do material a ser tratado 10. Se o material a ser
tratado 10 é guiado através dos elementos de insercio 112,
113 a partir da regido de tratamento disposta em um
primeiro lado (& esquerda na figura 7) dos elemerntos de

insercdo, no qual o liquido de tratamento 21 & acumulado
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até um nivel 121, uma camada de liquido de tratamento de
uma profundidade menor 122 permanece no material a ser
tratado 10.

Os elementos de insercg¢do 112, 113 podem ser configurados de
maneira adequada de acordo com as condi¢des estruturais da
montagem na qual o dispositivo 111 & usado. Por exemplo, os
elementos de insergdo 112, 113 podem ser projetados de
forma que os vdos 115, 118 na dire¢do de transporte 20
sejam o mais longo possivel.

Os elementos de inserg¢do 112, 113 podem ser montados de
maneira fixa em termos de ‘rotaééo na montagem para
tratamento quimico a UGmido. Os elementos de insercdo 112,
113 na monfégem/ em partidular/ podem‘também’éer anexados
em uma posigdo que é fixada na direcdo de transpérte. Os
elementos de inserg¢do 112, 113 podem ser anexados de forma
que os meémos sejam verticalmente méveis entre si.

Em uma modificacdo do dispoSitivo 111, um elemento de
insercdo em forma de cubo é fornecido acima do plano de
transporte énquanto, abaixo do plano de tfansporte, um
cilindro é fornecido para transportar o material a ser
tratado. O elemento de insercdo em forma de cubo pode, por
exemplo, ter o mesmo projeto que o elemento de insercdo 112
do dispositivo 111.

A figura'8 uma vista lateral eSquemética de uma éstacéo de
tratamento 131 na qual uma, em uma regidio de fluxo de
entrada, um par de cilindros 132, 133 é fornecido e em uma
regiéo de fluxo de saida um par adicional deAéilindros 134,
135 & fornecido. O cilindro 132 na regido de fluxo de

entrada é dispostc acima do plano de tfansporte e o
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'ciiiﬁdrbwr133W'néwrre§ié¢ de fluxo de entrada & aideSEb

abaixo do plano de transporte de um material a ser tratado
10. O cilindro 134 na regido de fluxo de saida é disposto
acima do plano de transporte e o cilindro 135 na regifo de
fluxo de saida € disposto abaixo do plano de transporte de
um material a ser tratado 10. Através dos pares de
cilindro, o 1liquido de tratamento 21 na estacdo de
tratamento 131 é acumulado até um nivel 136.

Cada um dos cilindros 132 a 135 tem, em suas extremidades
axiais, porgdes de transporte na forma de porgdes elevadas
5, 15, para transportar o material a ser tratado. Entre as
porgdes de transporte fornecidas nas extremidades, uma
superficie de retengdo 4, 14 com um didmetro menor &
formado. Conforme explicado com referéncia Aas figuras 1 e
2, a superficie de retencdo 4, 14 dos cilindros forma um
vdo com o material a ser tratado é guiado para além dos
cilindros, gque se estendem na direcdo de largura do
material a ser tratado.

As diferentes porg¢des do cilindro 132 na regido de fluxo de
entrada sdo acionadas de forma giratéria de forma que as
porcdes de transporte 5 e a superficie de retencdo 4
disposta entre as mesmas do cilindro 132 fornecido acima do
plano de transporte giram'na mesma direg¢do. As diferentes
porgdes do cilindro 133 na regido de fluxo de entrada sdo
acionadas de forma giratbéria de forma que as porcdes de
transporte 15 e a superficie de retengdo 14 disposta entre
as mesmas do cilindro 133 fornecido abaixo do plano de
transporte, giram na mesma direc3o. A diregdo rotacional

141 das porcdes de transporte 5 do cilindro 132 fornecido
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‘acima do plano de transporte, é selecionada de forma que as

porcdes de transporte 5 em seus pontos de contato com o
material a ser tratado 10 se movem na dire¢do de transporte
20 a fim de transportar o material a ser tratado 10 na
diregdo de transporte 20. A direcdo rotacional 143 das
por¢des de transporte 15 do cilindro 133 fornecido abaixo
do plano de transporte, é selecionada de forma que as
porgdes de transporte 15 em seus pontos de contato com o
material a ser tratado 10 se movem na diregdo de transporte
20, a fim de transportar o‘material a ser tratado 10 na
direg¢do de transporte 20..A superficie de retengdo 4 do
cilindro 132 fornecido acima do plano de transporte &
girado na mesma direcdo com as porcgdes de transporte 5 do
cilindro 132 em uma diregdo rotacional 142, de forma que a
porgdo da superficie de retengdo 4 que fica de frente
diretamente para o material a ser tratado 10, se move na
diregdo do nivel de liquido mais alto (& direita na figura
8). Similarmente, a superficie de retencdo 14 do cilindro
133 fornecido abaixo do plano de transporte é girado na
mesma diregdo dgue as porgdes de transporte 15 em uma
direcdo rotacional‘144, de forma que a porgdo da superficie
de retengdo 14 que fica de frente diretamente para o
material a ser tratado 10, se move na direqéo'do nivel de
liquido mais alto (& direita na figura 8).

Através de um projeto adequado dos cilindros 132, 133, um
nivel de liquido suficientemente alto 136 pode ser
acumulado enquanto os movimentos da superficie de retencio
4 em diregdo a regido com o nivel de liquido alto reduzem

suficientemente a passagem do liquido através dos vios
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formados nas superficies de retencdo 4 dos cilindros 132,
133. Para este fim, os cilindros 132, 133 podem ser
projetados de formé que um vdo & formado com uma altura de
vdo minima de menos do que 0,3 mm, por exemplo,
aproximadamente 0,1 mm entre a superficie de retencdo 4, 14
e a superficie do material a ser tratado 10 em opoéigéo a
superficie de reténgéo. Por exemplo, as porgdes de
transporte podem ser aumentadas em menos do gue 0,3 mm, por
exemplo, por aproximadamente 0,1 mm, em relacdo a
superficie de retengdo.

Na regido de fluxo de saida, as por¢des de transporte 5, 15
dos c¢ilindros 134, 135 sdo girados em uma direcdo
rotacional 145, 147 de forma que as por¢des de transporte
5, 15 se movem em seus pontos de contato com o material a
ser tratado 10 na diregdo de transporte 20.

A fim de reduzir a passagem do liquido através dos vaos
formados na regido de fluxo de saida através dos cilindros
134, 135 na regido de fluxo de saida, o cilindro 134
fornecido acima do plano de transporte pode ser configurado
de forma dque a superfiéie de retengdo 4 do cilindro 134
possa ser girada em relacdo a porc¢do de transporte”5 do
cilindro 134. Similarmente, o cilindro 135 fornecido abaixo
do plano de transporte pode ser configurado de forma que a
superficie de retengdo 14 do cilindro 135 possa ser girada
em relacao é'porgéo de transporte 15 do cilindro 135. Na
regido de fluxo de saida, a superficie de retehgéo 4 do
cilindro 134 fornecido acima do plano de transporte possa
ser giradé em uma dire¢do rotacional 146 que é a direcdo

Oposta a difecéo rotacional 145 da porgdo de transporte 5
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deste cilindro 134. A superficie de retencdo 14 do cilindro
135 fornecido abaixo do plano de transporte, possa ser
girada em uma diregdo rotacional 148, que se opde & direcido
rotacional 147 da porgdo de transporte 15 deste cilindro
135. Desta forma, uma rotagdo das superficies de retencdo
4, 14 podem também ocorrer na regido de fluxo de saida de
forma que a porgdo da superficie de retencdo 4 do cilindro
134 fornecido acima do plano de transporte, que fica de
frente diretamente para o material a ser tratado 10, se
move na diregdo do nivel de liquido mais alto (& esquerda
na figura 8). Similarmente, a éuperficie de retencdo 14 do
cilindro 135 pode ser girada na diregdo oposta & porcdo de
transporte 15 de forma que a porcdo da superficie de
retengéo 14 do cilindro 135, que fica de frente diretamente
para o material a ser tratado 10, se move na direcdo do
nivel de liquido mais alto (& esquerda na figura 8). |
Além disso, os cilindros 134, 135 na regido de fluxo de
saida podem ser projetados de forma que um vdo & formado
com uma altura de vd3o minima de menos do que 0,3 mm, por
exemplo, aproximadamente 0,1 mm entre a superficie de
retengéov4, 14 e a supefficie do material a ser tratado 10
que ge opée a superficie de retengdo. Por exemplo, as
porgdes de transporte podem ser aumentadas pof menos do que
0,3 mm, por exemplo, por aproximadamente 0)1 mm, em relacdo
a superficie ae retencdo. | '

Alternativamente ou adicionalmente, em cada caso um ou mais
dispositivos de sopro podem ser fornecidos na regido de
fluxo de entrada e/ou na regifo de fluxo de saida da

estagdo de tratamento 131, a fim de remover o liquido de
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tratamento que emerge através dos vios através de um fluxo
de fluido; conforme expliéédo comvfeferéﬁcia a figura 3.
Através de um projeto adequado de péres de c¢ilindro, na
regido de fluxo de entrada e/ou regido de fluxo de saida, é
possivel reduzir ﬁm fluxo de saida do liquido através dos
Véos due permanecem durante o transporte'do material a ser
trétado,vde forma que na regiéo“de fluxo de entrada e/ou na
régiad de fluxo de saida da éstagéo de tratamento um
dispositivo de fluxo ndo & fornecido para soprar para longe
um liquido de tratamento.

Na regido de fluxo de entrada.e/ou na regido de fluxo de
saida, em cada caso uma pluralidade de dispositivos para
remover ou reter o liquido de tratamento pode, além disso,
ser fornecido conforme explicado com referéncia as figuras
4 e 5.

Os dispositivos e métodos de acordo com diferentes
modalidades tornam poésiveis, em uma montagem, um
tratamento ‘quimico a Gmido do material a ser tratado para
remover ou reter um liquido de tfatamento do material a ser
tratado, contato direto entre os cilindros de compresééo e
uma regido Gtil do material a ser tratado Que é capaz de
ser reduzida ou evitada.

Inmeras modificagées das modalidades mostradas nas figuras
e descritas em détalhes'podem ser implementadas em outras
modalidades.

Enquanto, em diferentes modalidades, superficies de
retengdo tém sido descritas que se estendem na direcdo de
largura do material a ser tratado substancialmente na mesma

altura transversalmente ao material a ser tratado, a
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superficie de retencdo formadora de vio pode, além disso,

ser configurada de forma que a seg¢do transversal do vao, em
particular a altura do vao, altera na diregdo de largura do
material a ser tratado. Por ekemplo, a superficie de
retengdo na diregéo de largura do material»a ser tratado
pode ser cdncava, de forma que o vdo formado & mais alto no
meio do material a ser tratado do Que nas bordas,
dependendo da posig¢do na direg¢do de largura do material a
ser tratado.

Enquanto as diferentes modalidades podem ser usadas, em
particular, em montagens de tratamento na qual o material a
ser tratado é& transportado continuamente e em um plano de
transporte horizontal, modalidades podem também ser usadas
em montagens nas dquais o material a ser tratado &
transportado em um plano de transporte vertical. Por
exemplo, uma combinagdo de wuma superficie de retencio
formadora de vaoc e dispositivo de fluxo pode também ser
usada para acumular liquido, quando o material a ser
tratado & transportado em um plano de transporte vertical.
Enquanto o uso de dispositivos tem sido descritos para
remover ou reter liquido de tratamento em uma regido de
fluxo de entrada e/ou'em uma regidio de fluxo de saida de
uma estagdo de tratamento dentro do <contexto das
modalidades,'tal dispositivo pode, além disso, ser usado
dentro de uma unidade de tratamento a fim de deslocar
iiquido, por exemplo, para troca de material aprimorada.

Os dispositivos e métodos de acordo com as diversas
modalidades podem, por exemplo, ser usadog nas produgdes de

placas de circuito, tal como placas de circuito impresso,
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sem que seu uso seja limitado ao mesmo.

Lista de numerais de referéncia

1
tratamento

2

10

11

12

14

15, 16
17

18

19

20

21

22

23

24

25, 26
31
tratamento
32

33

Dispositivo para remover liquido

Cilindro

Cilindro adicional
Superficie de retengdo
Porgdo de borda elevada
Haste

Vao

Altura de vdo minima
Material a ser tratado
Regido Gtil

Regido de borda
Superficie de retencdo adicional
Porg¢ao de borda elevada
Haste

Vao adicional

Altura de vdo minima
Diregdo de transporte
Liquido de tratamento
Nivel de liquido
Liquido de tratamento
Nivel de liquido
Direg¢do rotacional

Dispositivo para remover liquido

Dispositivo de fluxo

Fluxo de fluido

de

de
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34

41
42

43,

tratamento

46
47,
51,
53,
54,
57,
58,
61
71,
73
74
81
82

83

tratamento

44,

48
52
55
56
59

60

72

84-86

91,
93
94
95
96
97

101

tratamento

92

45
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Ligquido de tratamento
Regido de fluxo de saida
Regido de tratamento

Dispositivo para remover liquido

Base

Barreira

Cilindro

Cilindro

Dispositivo de fluxo
Cilindro

Dispositivo de fluxo
Abertura

Nivel de liquido
Liquido de tratamento
Diferen¢a em niveis
Regido de fluxo de saida
Regido de tratamento

Dispositivo para remover liquido

Cilindro

Nivel de liquido
Ligquido de tratamento
Bomba

Fluxo de liquido
Abertura

Difereng¢a em niveis

Dispositivo para remover liquido

de

de

de
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102

103
104
105
106
107
108,

111

tratamento

112,
114,
115,
116,

131

109

113

117

118

119

132-135

136

141-148

200
201
202
203
204
206,
208
209
210
211,
214,

213,

207

212,
216

215
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cilindro

Cilindro adicional

Superficie de retengdo

Pdrgéo de borda recuada
Superficie de retengdo adicional
Porgdo de borda recuada

Trilho de retencao

Dispositivo para remover 1liquido

Elemento de insercédo
Superficie lateral
vao

Chanfradura

Estagdo de tratamento
Cilindro

Nivel de liquido
Direcdo rotacional
Estagdo de tratamento
Recipiente interno
Recipiente externo
Material a ser tratado
Diregdo de transporte
Bocal de fluxo

Liquido de tratamento
Nivel no recipiente externo

Bomba

Par de cilindros de transporte

de

Par de cilindros de compressdo
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REIVINDICACOES

1. Método para tratamento de um material plano a ser
tratado (10), que ¢é transportado em uma montagem para
tratamento quimico a umido do material a ser tratado (10) ao
longo de um trajeto de transporte, em que:

o0 material a ser tratado (10) é submetido a um ligquido
de tratamento (21) na montagem, e

uma superficie de retencdo (4, 14) para reter o ligquido
de tratamento (21) sendo posicionado no trajeto de transporte
de modo que um vao (8, 18) permaneca entre a superficie de
retencdo (4, 14) e uma superficie do material a ser tratado
(10), quando o material a ser tratado (10) é movido para
além da superficie de retencédo (4, 14),

a superficie de retencido (4, 14) sendo formada em um
cilindro (51, 52; 84, 85),

0 método CARACTERIZADO pelo fato de que

o cilindro (51, 52; 84, 85) é posto em rotacdo de modo
que uma parte da superficie de cilindro que define o vao (8,
18) em um lado se move em uma direcdo que é oposta a uma
direcdo de transporte do material a ser tratado (10).

2. Método, de acordo com a reivindicacéo 1,
CARACTERIZADO pelo fato de que um ligquido de tratamento (21)
que passa através do vao (8, 18) é removido a partir do
material a ser tratado (10) através de um fluxo de fluido
que flui sobre o material a ser tratado (10).

3. Método, de acordo com a reivindicacéo 2,
CARACTERIZADO pelo fato de que um fluxo de fluido (33) usado
para remover o liquido de tratamento (21) é direcionado de

modo gue © mesmo ndo passe através do vao (8, 18).
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4. Método, de acordo com qualquer uma das
reivindicacdes 1 a 3, CARACTERIZADO pelo fato de gque uma
diferenca em niveis (74; 97) do liguido de tratamento (21)
é posta em lados opostos do vdo (8, 18).

5 5. Método, de acordo com qualquer uma das
reivindicacdes 1 a 4, CARACTERIZADO pelo fato de que a
superficie de retencdo (4, 14) ¢é girada de modo dgue a
passagem do ligquido de tratamento (21) através do vao (8,
18) é reduzida ou evitada.

10 6. Método, de acordo com qualquer uma das
reivindicacdes 1 a 5, CARACTERIZADO pelo fato de que o
liquido de tratamento (21) é acumulado pela superficie de
retencdo (4, 14) em uma estacdo de tratamento, de modo que
o material a ser tratado (10) é transportado na estacdo de

15 tratamento imersa no liquido de tratamento (21).

7. Dispositivo para remover ou reter liquido de
tratamento (21) de um material plano a ser tratado (10) para
uma montagem para tratamento gquimico a umido do material a
ser tratado (10), em gque o dispositivo compreende uma

20 superficie de retencdo (4, 14) para reter o liquido de
tratamento (21) e projetada para ser disposta em relacdo a
um trajeto de transporte do material a ser tratado (10) de
forma que o dispositivo forme um vao (8, 18) entre a
superficie de retencédo (4, 14) e a superficie do material a

25 ser tratado (10) transportado ao longo do trajeto de
transporte, em que a superficie de retencédo (4, 14) é formada
em um cilindro (51, 52; 84, 85),

0 dispositivo CARACTERIZADO pelo fato de gque ainda

compreende um dispositivo de acionamento o qual é projetado
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para colocar o cilindro (51, 52; 84, 85) em rotacdo de forma
que a parte da superficie do cilindro, a qual define o véao
(8, 18) em um lado, se mova em uma direcdo a qual é oposta
a direcdo de transporte do material a ser tratado (10).

5 8. Dispositivo, de acordo com a reivindicacado 7,
CARACTERIZADO pelo fato de que o liquido de tratamento é
acumulado em ambos os lados do cilindro (51; 84), e uma
diferenca em niveis (74; 97) do liguido de tratamento (21)
sdo postos em lados opostos do vao (8, 18).

10 9. Dispositivo, de acordo com a reivindicacdo 7 ou 8,
CARACTERIZADO pelo fato de que compreende um dispositivo de
fluxo (32; 54, 56, 58, 60) afastado da superficie de retencéo
(4, 14) que é projetada para remover, por meio de um fluxo
de fluido (33), o ligquido de tratamento (21) a partir do

15 material a ser tratado (10).

10. Dispositivo, de acordo com a reivindicacado 9,
CARACTERIZADO pelo fato de que o dispositivo de fluxo (32;
54, 56, 58, 60) é& projetado e disposto de modo que o fluxo
de fluido (33) ndo passe através do vdo (8, 18).

20 11. Dispositivo, de acordo com gualgquer uma das
reivindicacdes 7 a 10, CARACTERIZADO pelo fato de que &
projetada para uso no método conforme definido em qualquer
uma das reivindicacdes 1 a o©.

12. Montagem para tratamento de um material plano a

25 ser tratado (10), a montagem sendo projetada para aplicar
sobre pelo menos uma superficie do material a ser tratado
(10) um liquido de tratamento (21) ou para imergir o material
a ser tratado (10) em um liquido de tratamento (21), e a

montagem ¢é projetada para transportar o material a ser
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tratado ao longo de um trajeto de transporte, em dque a
montagem compreende:

uma estacdo de tratamento gque ¢é configurada para
acumular o liquido de tratamento (21);

5 um dispositivo (132, 133) para remover ou reter um
liquido de tratamento (21) a partir do material plano a ser
tratado (10), sendo que o dispositivo (132, 133) é fornecido
em uma regido de fluxo de entrada da estacdo de tratamento,
sendo que o dispositivo compreende uma superficie de retencéo

10 (4, 14) para reter o liquido de tratamento (21) e & disposto
em relacdo ao trajeto de transporte do material a ser tratado
(10) de modo que o dispositivo adicional (132, 133) forma um
vdo (8, 18) entre a superficie de retencdo (4, 14) e uma
superficie do material a ser tratado (10) transportado ao

15 1longo do trajeto de transporte; e

um dispositivo adicional (134, 135) para remover ou
reter o liquido de tratamento (21) a partir do material plano
a ser tratado (10), o dispositivo adicional (134, 135) sendo
fornecido em uma regido de fluxo de saida da estacdo de

20 tratamento, sendo que o dispositivo adicional (134, 135)
compreende uma superficie de retencido (4, 14) para reter o
liguido de tratamento (21) e sendo disposta em relacdo ao
trajeto de transporte do material a ser tratado (10) de modo
que o dispositivo adicional (134, 135) forma um vado (8, 18)

25 entre a superficie de retencdo (4, 14) e a superficie do
material a ser tratado (10) transportado ao longo do trajeto
de transporte;

CARACTERIZADA pelo fato de que a montagem é projetada

para girar em direcdes opostas a superficie de retencdo (4)
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do dispositivo (132, 133) fornecido na regido de fluxo de
entrada da estacdo de tratamento e a superficie de retencéo
(4) do dispositivo (134, 135) fornecido na regido de fluxo
de saida da estacdo de tratamento.

5 13. Método para produzir uma placa de circuito,
CARACTERIZADO pelo fato de gque a placa de circuito &
produzida a partir de um material a ser tratado, que &
tratado com o uso do método conforme definido em qualquer

uma das reivindicacdes 1 a o©.
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